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(57) Resumo: COMPOSIGCOES RETARDANTES DE CHAMA DE
SULFONATO AROMATICO A presente invencdo refere-se a
composicdes retardantes de chama, em que os sais de &cidos
sulfénicos aromaticos selecionados estdo presentes em um substrato
de policarbonato. As composigdes atingem a avaliagéo desejavel de V-
O, de acordo com o UL-94 (Underwriter's Laboratories Subject 94) e
outras excelentes avaliagbes em métodos de testagem relacionados,
preservando as excelentes propriedades mecéanicas, quimicas e
térmicas dos policarbonatos, tais como a clara transparéncia.
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Relatério Descritivo da Patente de Invencdo para "COMPOSI-
C()ES RETARDANTES DE CHAMA DE SULFONATO AROMATICO“.

A presente invencao refere-se a composi¢des retardantes de
chama compreendendo sais de acidos sulfénicos aromaticos e policarbona-
tos selecionados e a um processo para fornecer o retéfdamento de chama a
um substrato polimérico compreendendo os policarbbnatos e sais de acidos
sulfénicos aromaticos selecionados.

Os policarbonatos sao polimeros termoplasticos de alta dureza,
transparéncia realgada, compatibilidade excelente com varios polimeros, e
alta resisténcia a distorcao causada pelo calor. Os policarbonatos corres-

Frogod-
It n
O .

O policarbonato economicamente mais importante é o policarbo-

pondem a férmula geral:

nato de 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano (1), também denominado policarbona-
to de bisfenol A [24936-68-3] (BPA-PC):

| - CH,

CH, - Q
¥ ;
cf. Ullmann Encic/opedia of Industrial Chemistry, Edicao On/ine, Wiley- VCH,
DOI: 10.1002/14356007.a21_207, e a entrada Polycarbonate, Roempp Onli-
ne, www.roempp. com. |

Sao conhecidos varios aditivos para melhorar as propriedades

mecanicas, quimicas e térmicas dos policarbonatos. Os policarbonatos ter-
minados em fluorcarbono sao uteis para varias aplicagoes técnicas, tais co-
mo redutores de energia superficial, "modificadores de superficie", para ma-
teriais organicos, preferivelmente policarbonatos, poliésteres, poliacrilatos ou
polimetacrilatos ou suas misturas, combinagdes ou ligas. Os polimeros com
uma energia superficial assim reduzida possuem propriedades desejaveis,
tais como superficies de "facil limpeza®, com "autolimpeza®, com "anti-

sujeira", com ‘liberacdo de sujeira", "antienxertia", "resistentes a dleos",
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“resistentes a solventes’, com ‘resisténcia quimica", "autolubrificantes",
"resistentes a arranhdes", com "baixa absor¢cdo de umidade" e "hidrofébi-
cas". A preparagao dos policarbonatos com terminag¢ado em fluorcarbono par-
ticularmente uteis é descrita no Pedido Internacional de Patente N°
PCT/EP2004/053331.

Os retardantes de chamas sao acrescentados a materiais poli-

_méricos (sintéticos ou naturais) para melhorar as propriedades de retarda-

mento de chama do polimero. Dependendo da sua composicao, os retardan-
tes de chamas podem atuar na fase sélida, liquida ou gasosa, quer seja

quimicamente, por exemplo, como um espumante pela liberagédo do nitrogé-

-nio, e/ou fisicamente, por exemplo, produzindo uma cobertura de espuma.

Os retardantes de chamas interferem durante uma determinada etapa do
processo de combustao, por exemplo, durante 0 aquecimento, ou durante a

decomposig¢do, ou durante a igni¢ao ou a extensao da chama.

E conhecida a adi¢éo dos retardantes de chamas a policarbona-
tos, cf. J. Troitzsch, Plastics Flammability Handbook, 3° edicdo, Hanser Pu-
blishers, Munique 2004, paginas 158-172 (ISBN 3-446-21308-2).

Os retardantes de chama a base de sais de metais alcalinos, al-
calino-terrosos ou de aménio sdo particularmente convenientes em baixas
concentragdes. Entre estes sais, os sulfonatos de pefluoroalcano pertencem
aos mais eficientes. Os seus usos como retardantes de chama em policar-
bonatos é conhecido; cf. T. Ishikawa et al., Journal bf Macromolecular Scien-
ce, Part A-Pure and Applied Chemistry, Vol. A41, N2 5, pp. 523-535, 2004.

Em aplicagbes onde uma espessura de amostra é menor ou i-
gual a 1,6 mm é necessaria, um retardamento de chama de V-0, Ade acordo
com a UL-94 (Underwriter's Laboratories Subject 94), é obtido pela adicdo
de um denominado agente de antigotejamento, tal como o politetrafluoretile-

no. Foram propostos outros co-aditivos dos retardantes de chamas tais co-

mo os haloarilfosfatos, cf. Especificacdo de Patente US N° 5.478.874 ou sais
de guanidina; cf. ‘Especificacdo de Patente US N° 6.518.340. A adicao de
polissiloxanos de diferentes estruturas foi proposta em varias referéncias; cf.
Especificagdo de Patente US N° 6.660.787, US 6.727.302 ou US 6.730.720.
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Um problema destes aditivos é encbntrado no fato de que a concentragao do
retardante de chama deve ser aumentada para chegar a classificagéo V-0, 0
que é prejudicial para as propriedades mecanicas, quimicas e térmicas dos
policarbonatos. , |
Consequientemente, a presente invengo refere-se a encontro de
aditivos adequadds, que sao aplicaveis em baixas concentragdes como re-
tardantes de chama em policarbonatos. Encontrou-se surpreendentemente
que os sais de acidos sulfénicos aromaticos selecionados sdo aditivos parti-
cularmente convenientes mesmo em baixas concentragdes. Do mesmo mo-
do que os retardantes de chamas da primeira escolha, tal como os retardan-
tes de chama a base de sais de metais alcalinos, alcalino-terrosos ou de
amoénio, os sais de acidos sulfénicos aromaticos selecionados estao presen-
tes em pequenas quantidades nos policarbonatos e, devido aos baixos ni-
veis de dosagem, ndo possuem nenhum efeito negativo significante sobre a
mecanica e outras propriedades do polimero. |
A presente invencdo refere-se a uma composicédo, particular-
mente uma composi¢ao retardante de chamas, compreendendo: |
a) pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em:
a4) sais do écido/triazinilamino estilbeno dissulfénico da férmula:
_ R,
N=(
R2__<\N—/<N ™ 0,8 .
”H (),
SO, M* =N
N\ f\1>_R1

R,

em que:'

Ry e Ry independentemente um do outro representam -NH2,
-NH-alquil(C4-C4), -N(alquil(C+-Ca))2, -NH-hidréxi-alquil(C,-C,), -N(hidroxi- .
alquil(C2-Cy4))2, -N(alquil(C1-Ca))(hidroxi-alquil(C2-Ca)), fenilamina, difenilami-
na, fenilamina substituida ou difenilamina substituida por 1 a 3 substituintes

selecionados do grupo consistindo em -S(=0).-O" M*, alquil(C-C,4) e alcé-
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xi(C4-Cs4), de uma N-heterociclica saturada de 5 a 6 membros;

R1' e Ry’ sdo definidos tal como R e Ry; e

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina;

ap) Sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico da

férmula:
v o so, M
J @ \Nﬁ
(1),
>/
R; N Rg R,

em que:

R representa o hidrogénio, alquil(C1-C4) ou o grupo -S(=0),-O" M*;

Rz representa o hidrogénio ou hidroxi;

R3 represénta o hidrogénio, alquil(C4-C,), alcéxi(C1-C4) ou benzi-
la; e |

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina; '

as) Derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno da férmula:
MO8 R, | R, A
OO
e OO
AR2 ‘ RSl

em que:

Rie R ir{dependentementes um do outro representam o hidro-
génio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*,
alquil(C4-C,), fenil-alquil(C4-Cy), hidroxi e alcoxi(C4-Ca);

Ri1', R2' e R3' independentemente um do outro representam o hi-
drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O

“M*, alquil(C+-Cy), fenil-alquil(C4-Cy), hidrdxi e alcoxi(Ci-Cq); &

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation
formado de uma a'mina; e

as) Derivados substituidos do sulfo 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno
da férmula:
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em que: ,

R: e Rz independehtemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*,
alquil(C+-C,), fenil-alquil(C+-C,), hidroxi e alcoxi(C1-Ca);

R+, R2' e R3' independentemente um do outro representa‘m 0 hi-
drogénio ou um éubstituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O°
M, anuiI(C1-C4‘), fenil-alquil(C4-C4), hidréxi e alcéxi(Cy-Ca); € | '

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina;

as) Derivados de fenol substituido por sulfo da férmula:

R, 0O
Ar—S0O, M* V),
HO‘@*XJI\I}I/ st .
R
R, 8

R1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-

em que:

hio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em alquil(C4-C,),
cicloalquil(Cs-Ce), cicloalquil(Cs-Ce)-alquil(C1-Cy), arila e aril-alquil(C1-Cy);

R3 representa o hidrogénio ou alquil(C1-Ca);

X representa alquileno(C,-Ce);

Ar representa fenila, fenila substituida por 1 ou 2 substituintes
selecionados do grupo consistindo em alquil(C4-C4), cicloalquil(Cs-Cg), ciclo-
alquil(Cs-Ce)-alquil(C4-Cy), arila e aril-alquil(C4-C,), naftila ou naftila substitui-
da por 1a4 alquil(C4-Cy); e |

b) M* representa um &tomo de metal alcalino, aménio ou um cé-
tion formado de uma amina; e um substrato polimérico compreendendo o
policarbonato ou misturas de policarbonato. | |

Uma modalidade preferida de acordo com a presente invencao

refere-se a uma composicao, particularmente uma composicao retardante de
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chama, compreendendo:
' a) Pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em:
a1) Sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfonico (1), em que:
Ri e R: independentemente um do outro representam -NH,,
-N(alquil(C1-Ca))2, fenilamina substituida por 1 a 3 substituintes selecionados

‘do grupo consistindo em -S(=0),-O" M*, alquil(C-C4) e alcéxi(C4-Cs), um

heterociclico de 5 a 6 membros com heteroatomo de N;
R+' e R2' s@o definidos tal como Ry e Ry; €
‘M* representa um atomo de metal alcalino;
ag) Sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfonico(ll),

em que
R, representa o hidrogénio;
R representa o hidrbgénio;
Rs representa o hidrogénio ou alquil(C-C,); e
M* representa um atomo de metal alcalino;
agz) Derivados de bisestilbeno substituido por sulfofenila (lll), em
que

- Ry e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-

nio ou alquil(C4-Cy);

Um dos Ry', R2' e Rs' representa S(=0),-O M* e os outros repre-
sentam o h‘idro'génivou alquil(C4-Cy); e

M* representa um atomo de metal alcalino;

a4) Derivados de 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno substituido por
sulfo (IV), em qué: | '

R+ e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Cy);

R4+, R2' e Rs' independentemente um do outro representam o hi-

drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*
- e alquil(C4-Cy); e -

M* representa um atomo de metal alcalino; e

as) Derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que
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R, e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Ca);

R representa o hidrogénio ou alquil(C4-Ca);

X representa alquileno(C,-Ce); | ,

Ar representa fenila ou fenila substituida por 1 ou 2 alquil(C4-Cy);

M* representa um atomo de metal alcalino; e

b) Um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato.

Uma modalidade particularmente preferida refere-se a uma

- composigao, particularmente uma composi¢édo retardante de chamas, com-

preendendo:
a) Pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em: | | '
ai) Sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (1), em que:
Ri e R independentemente. um do: outro representam -N (al-
quil(C1-C4))2, fenilamina substituida por 1 ou 2 S(=0),-O" M*, ou morfolinila;
R’ e Ry’ séo definidos tal como Rq e Ry; e
- M* representa um atomo de metal alcalino;
ap) Sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),
em que:
"Ry representa o hidrogénio ou alquil(C-Ca);
Rz representa o hidrogénio ou hidréxi;
Rs representa o hidrogénio ou alquil(C4-Cy); e
M* répresenta um atomo de metal alcalino; e
as) Derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno (ll1), em que:
‘ R1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Ca);
~ Um dos Ry, Ry’ e Rs' representam S(=0)-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio ou alquil(C4-Cy); e
M* representa um atomo de metal alcalino; e

as) Derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:
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Um dos R, e R representa metila e outro representa terc-butila
ou ambos os Ry e R2 representam terc-butila; |

Rs representa o hidrogénio ou metila;

X representa alquileno(C»-Cy,);

Ar representa fenila substituida por 1 metila e 1 terc-butila ou por
2 terc-butila; e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

b) Um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato.

Uma modalidade altamente preferida refere-se a uma composi-
¢do, particularmente uma composi¢do retardante de chama, compreenden-
do: |

a) Pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em:

a,) Sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (1), em que:

Um dos R, e Rz representa -N(alquil(C1-Ca))2 e outro representa
fenilamina substituida por 2S5(=0),-O" M™;

Ri' e Ry' sédo definidos tal como Ry e Rp; e

M representa um &tomo de metal alcalino;

ap) Sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),

em que:

R1 e Rz representam o hidrogénio; e

R3 representa o hidrogénio ou alquil(C+-Ca); e

M representa um atomo de metal alcalino; e

az) Derivados de bisestilbeno substituido por sulfofenila (lIl), em
que:

R1 e Rz representam o hidrogénio; _

Um dos Ry, R2' e R3' representam S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio; e '

M* representa um atomo de metal alcalino;

as) Derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:

R+ e Ra representam terc-butila;



R3 representa o hidrogénio;

X representa o etileno;

Ar representa fenila substituida por 2 terc-butila; e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

5 b) Um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou

misturas de policarbonato.

A modalidade mais preferida refere-se a uma composigdo, parti-
cularmente uma composi¢ao retardante de chama, compreendendo:

a) Pelo menos um sal de um &cido sulfénico aroméatico selecio-

10 nado do grupo consistindo em:
a1) Um sal do &cido triazinilamino estilbeno dissulfonico da for-

mula:

N / N—C2H5 (Il)s

‘ ag) Um sal do &cido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfonico

da formula:

N
7 \
N

15 as) Um derivado de bisestilbeno substituido por sulfofenila, da
férmula:

so M *M 0,8

, ﬁzﬁﬁzﬁ‘@ (i
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as) Um derivado de fenol substituido por sulfo da férmula:
o4O

e um sal do mesmo;

e .

b) Um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato. '

As composi¢des de acordo cdm a presente invengao alcangam a
avaliagdo de V-0 desejavel, de acordo com o UL-94 (Underwriter's Laborato-
ries Subject 94): e outras avaliagoes excelentes em métodos de testagem
relacionados preservando as excelentes propriedades mecanicas, quimicas
e térmicas dos policarbonatos, tais como a clara transparéncia. |

A composigao, tal como definida acima, compreende os seguin-

tes componentes:

Componente a) _
’ O termo sal de um acido sulfénico aromatico compreende dentro
do seu alcance preferivelmente os sais metalicos, por exemplo, um sal de
metal alcalino ou sal de metal alcalino-terroso, por exemplo, o sal de sédio,
potassio, caicio.

De acordo com uma modalidade alternativa, o termo sais com-
preendendo sais ndo metalicos, por exemplo, o amdnio, (alquil(C-Ca2));.
samonio ou (2-hidroxietil),.saménio, por exemplo, tetrametil aménio, tetaetil
amonio ou o sal 2-hidroxietil trimetil aménio.

Por isso, a definicdo do cation M* na féormula acima compreende
dentro do seu alcance um atomo de metal alcalino, por exemplo, o ion sédio
ou ion potassio, o ion aménio ou um cation formado de uma amina, por e-
xemplo, (alquil(C4-Cz2))1.4ambnio ou (2-hidroxietil)s.4amdnio, por exemplo, o
tetrametil amonio, tetraetil amonio ou os ions 2-hidroxietil trimetilamoénio.

Em um sal do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (1), o al-
quil(C4-C4) presente em Ry e R, e, de modo correspondente em R¢' e Ry, é
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metila, etila, n-propila, isopropila, n-butila, isobutila ou terc-butila.

O hidroxi-alquil(C»-Cs4) é preferivelmente 2-hidroxietila.

A fenilamina ou difenilamina substituida por 1 a 3 substituintes
selecionados do grupo composto de -S(=0).-O" M*, alquil(C4-C4) e alcoxi(Cq-
C.,) é, por exemplo, fenilamina ou difenilamina, em que o fenila é substituido

por um ou dois grupos -S(=0)-O'Na* ou por um ou dois metila ou grupos

“metoxi.

O alcoxi(C1-C4) é metdxi, etdxi, n-propdxi, isopropdxi, n-butdxi,
isobutdxi ou terc-butdxi.
O heterociclico saturado de 5 ou 6 membros com heteroatomo

~de N &, por exemplo, pirrolidinila, piperidinila ou, preferivelmente, morfolinila.

O Tinopal® SFP (Ciba Specialty Chemicals) é particularrhente
preferido: Sdédio 4,4'-bis(2-amino-4-monoetanolamina-6-S-triazinil)-diamino-

estilbeno-2,2'-dissulfonato:

Z 2
’d

NS

z

I

0
N

T
W

i SO, Na"
*Na 0,8

Os Sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (I) sado
compostos conhécidos. A sua aplicagdo técnica como agentes fludrescentes'
de branqueamento e a sua preparacao sao descritas na WO 2005/068597.

Em um sal do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfoni-

co (Il) as definigdes do M*, alquil(C-C,) e de alcoxi(C1-Cs) presentes em Ry,

R2 e R3 correspondem as definicdes em compostos (1).
Particularmente preferido é o Tinogard® HS (Ciba Specialty
Chemicals): 3-(2H-benzotriazol-2-il)-4-hidroxi-5-(1-metilpropil) benzenossul-

fonato de sodio:
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HO
N
7 \
L
4
N

Os sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico (Il)'

SO, Na’

sao compostos conhecidos. A sua apl'icagéo técnica como agentes fluores-
centes de branqueamento e a preparacado destes compostos é descrita na
WO 84/02365. ,

Em um derivado de sulfofenil substituido por bisestilbeno (lll) as
definicbes do M*, alquil(C1-C4) e alcéxi(Cy-Cas) presentes em Ry e Rz e em
R+, R2' e R3' correspondem as definicdes dos compostos (I).

O fenil-aiquiI(C1-C4) é, por exémplo, benzila ou 1-fenetila ou 2-
fenetila. ‘
| Particularmente preferido é o TINOPAL CBS: 2,2‘-(4,4'-bifenildiil-
di-2,1-etenodiil)-dibenzenossulfonato dissodico: '

SO, Na* "Na 0,8
5 OO

Os derivados de sulfofenil substituido por bisestilbeno sdo com-
postos conhecidos. A sua aplicagcdo técnica como branqueadores 6ticos e a
sua preparag¢ao sao descritas na Especificagdo de Patente US N° 3.984.399.

Em um derivado de fenol substituido por sulfo (V) Ry e Rz inde-
pendentemente um do outro represéntam o hidrogénio ou um substituinte
selecionado do grupo consistindo em alquil(C4-C,), cicloalquil(Cs-Cs), ciclo-
alquil(Cs-Csg)-alquil(C1-Cy), arila e aril-alquil(C4-Cy).

O alquil(C4-C4) € metila, etila, ou n-isopropila ou n-, iso ou terc-
butila. |

O cicloalquil(Cs-Cs) € ciclopentila ou cicloexila.

O cicloalquil(Cs-Ce)-alquil(C+-C,) é por exemplo, ciclopentil metila
ou cicloexil metila.

O arila é preferivelmente fenila.

O aril-alquil(C4-Cy) é preferivelmente benzila ou 2-fenil etila.
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R3 é preferivelmente o hidrogénio ou metila.

X é definido como alquileno(C2-Cs) € tem uma cadeia preferivel-
mente reta, por exemplo, etileno, n-propileno ou n-butileno.

Ar é definido como fenila substituida por 1 ou 2 substituintes se-
lecionados do grupo consistindo em alquil(C-Cy), cicloalquil(Cs-Ce), cicloal-
quil(Cs-Cg)-alquil(C+-Cy), é por exemplo, fenila substituida por 1 metila e 1

terc-butila ou fenila substituida por 2 terc-butila, fenila substituida por ciclo-

pentila ou cicloexila, fenila substituida por benzila, ou fenila substituida por
ciclopentil metila ou cicloexil metila.
Naftila substituida por 1 a 4 alquil(C4-C4) é por exemplo, naftila

“substituida por 1 a 4 metila, naftila substituida por 1 metila ou 1-terc-butila ou

naftila substituida por 2 terc-butila.
Os derivados de fenol substituido por sulfo (V) sdo compostos
conhecidos e podem- ser prepérados por métodos conhecidos, tais como
aqueles descritos na Especificacdo de Patente US N° 3.665.031.
De acordo com uma modalidade preferida um derivado de fenol
substituido por sulfo (V) é representado pela seguinte formula estrutural:

R
HO == 0 so,M*
R,

em que um dos R; e R, representa metila e outro representa terc-butila ou
ambos os Ri e R. representam terc-butila e M* representa um ion de metal
alcalino. '

De acordo com uma modalidade particularmente preferida um'

derivado de fenol substituido por sulfo (V) é representado pela seguinte for-

0 o
. H

que esta comercialmente disponivel pela Ciba Specialty Chemicals Holding

mula estrutural:

o
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Inc (Tinogard® AO 6).
Componente b)

O substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou mis-

‘turas de policarbonatos pode ser de qualquer grau e preparado por qualquer

método conhecido. O termo substrato polimérico compfeende dentro do seu
alcance quaisquer homopolimeros do poIicarbonafo ou copolimeros dos
mesmos, tal como os copolimeros com o poliéster.

Os policarbonatos sdao polimeros termoplasticos que correspon-
dem a férmula geral:

~—-R-0-G-0-
1l n
O .

Os policarbonatos s@o obteniveis por processos interfaciais ou
por processos fundidos (transesterificacdo catalitica). O policarbonato pode
ter a estrutura ramificada ou linear e pode incluir quaisquer substituintes fun-
cionais. Os copolimeros do policarbonato e as misturas de policarbonato
estao também dentro dos limites de acordo com a presente invengﬁéo. O ter-
mo policarbonato deve ser interpretado como inclusivo de copdll’meros e
misturas com outras substancias termoplasticas. Os métodos para produgio
dos policarbonatos sé@o conhecidos, por exemplo, da Especificagdo das Pa-
tentes US N% 3.030.331; 3.169.121; 4.130.458; 4.263.201;, 4.286.083;
4.552.704,; 5.210.268; e 5.606.007. Uma combinagdo de dois ou mais poli-
carbonatos de pesos moleculares diferentes pode estar usada.

Séo preferidos os policarbonatos obteniveis pela reagdo de um
difenol, tais como bisfenol A, com uma fonte de carbonato. Os exemplos de

difenols conveniente sao:

R OanWas
Bisfenol A: , bisfenol AF:

3 , bisfenol Ap: HO OH pisfenol B:
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OH
Cl
" C
, bisfenol C: - OH pisfenol E:
OH OH
CH
1o B
H , bisfenol F: , bisfenol M:
OO
: , bisfenol P:

| I | |
HON /7 T\ 7 T\ /"

. | ’ HO O OH
oo LS

bisfenol S: o ~, bisfenol TMC: ,

bisfenol Z: )

n=0

4,4'-(2-norbornilideno)-bis(2,6-diclorofenol);

s
&

ou fluoreno-9-bisfenol: HO™ OH

A fonte de carbonato pode ser um haleto de carbonila', um éster
de carbonato ou um haloformato. Os haletos de carbonato adequados sdo
fosgénio ou o brometo de carbonila. Os ésteres de carbonato adequados
s80 os dialquilcarbonatos, tal como dimetila ou dietilcarbonato, carbonato de
difenila, fenil-alquilfenilcarbonato, tal como fenil-tolilcarbonato, dialquilcarbo-
natos, tal como dimetila ou dietilcarbonato, di(halofenil)carbonatos, tais como
di(clorofenil)carbonato, di(bromofenil)carbonato, di(triclorofenil)carbonato ou

di(triclorofenil)carbonato, di(alquilfenil)carbonatos, tais como di-tolilcarbona-
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to, naftilcarbonato, di(cloronaftil)carbonato e outros.

Outros detalheé de processo, tais como a adi¢do de reg‘uladores
de péso molecular, receptores acidos, e catalisadores sdo descritos nas re-
feréncias acima mencionadas.

De acordo com uma modalidade adicional; 0 substrato poliméri-
co compreendendo policarbonatos ou as misturas de policarbonatos € um
copolimero de policarbonato, em que estédo presentes os segmentos de isof-
talato/tereftalato-resorcinol. Tais policarbonatos estdo comercialmente dis-
poniveis, por exemplo, Lexan® SLX (General Electrics Co. EUA). Outro
substrato polimérico do componente b) pode adicionalmente conter na forma
de misturas adicionadas ou como copolimeros uma ampla variedade de po-
limeros sintéticos incluindo poliolefinas, poliestirenos, poliésteres, poliéteres',
poliamidas, poli(meta)acrilatos, poliuretanos termoplasticos, polissulfanos,
poliacetais e PVC, incluindo agentes de compatibilizagdo convenientes. Por
exemplo, o substrato polimérico pode conter adicionalmente os polimeros
termoplasticos selecionados do grupo de resinas consistindo em poliolefinas,
poliuretanos termoplasticos, polimeros do estireno e copolimeros dos mes-
mos. As modalidades especificas incluem o polipropileno (PP, polietileno
(PE), poliamida (PA), polibutileno tereftalato (PBT), polietileno tereftalato
(PET), tereftalato de policicloexilenemetileno modificado pelo glicol (PCTG),
polissulfona (PSU), poli (metacrilato de metila) (PMMA), poliuretano termo-
plastico (TPU), acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), éster acrilonitrila-
estireno-acrilico (ASA), acrilonitrila-etileno-propileno-estireno- (AES), estire-
no-anidrido maléico (SMA) ou poliestireno de alto impacto (HIPS).

Uma lista de polimeros sintéticos adequados é dada abaixo:

1. Os polimeros de monoolefinas e diolefinas, por exemplo, poli-
propileno, poliisobutileno, polibuteno-1, poli-4-metilpenteno-1, polivinilcicloe-
xano, poliisopreno ou polibutadieno, bem como polimeros de cicloolefinas, |
por exemplo, de ciclopenteno ou norborneno, polietileno (que opcionalmente
pode ser reticulado), por exemplo, o polietileno de alta densidade (HDPE), é
0 polietileno de alta densidade e alto peso molecular (HDPE-HMW), polieti-
leno de alta densidade e de ultra elevado peso molecuilar (HDPE-UHMW), o
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polietileno de média densidade (MDPE), o polietileno de baixa densidade
(LDPE), o polietileno linear de baixa densidade (LLDPE), (VLDPE) e
(ULDPE).

Poliolefinas, isto é, polimeros de monoolefinas exemplificados
nos paragrafos precedentes, preferivelmente o polietileno e o polipropileno,

podem ser preparados por diferentes e especialmente pelos seguintes mé-

todos:

a) Polimerizagédo radical (normalmente sob alta pressdo e em
temperatura elevada).
b) Polimerizagdo catalitica usando um catalisador que normal-

~mente contém um-ou mais do que um dos metais dos grupos Vb, Vb, Vib ou

VIl da Tabela Periédica. Estes metais normalmente possuem um ou mais do
que um ligante, tipibamente oxidos, haletos, alcoolatos, ésteres, éterés, ami-
nes, alquilas, alquenilas e/ou arilas que podem ser m- ou c-coordenadas.
Estes complexos metdlicos podem estar na forma livre ou de substratos
concentrados, tipicamente como cloreto de magnésio ativado, cloreto de ti-
tanio (Ill) ativado, alumina ou éxido de silicio. Estes catalisadores podem ser
soluveis ou insoltiveis no meio de polimerizacdo. Os catalisadores podem
ser usados por eles durante a polimerizagdao ou tam‘bém os ativadores po-
dem ser usados, tipicamente alquilas metalicas, hidretos metalicos, haletos
de alquilas metalicas, oxidos de alquilas metalicas ou alguiloxanos metali-
cos, os ditos metais sendo os elementos dos grupos la, lla e/ou llla da Tabe-
la Periddica. Os ativadores podem ser adequadamente modificados com
ésteres, éteres, e aminas ou grupos de silil éter. Estes sistemas de catalisa-
dor sdo normalmente denominados Phillips, Standard Oil Indiané, Ziegler-
Natta, TNZ (DuPont), metaloceno ou catalisadores de sitio tnico (SSC).

2. Misturas do polimero mencionados no item 1), por exemplo,

misturas de polipropileno com poliisobutileno, polipropileno com polietileno

(por exemplo, PP/HDPE, PP/LDPE) e misturas de tipos diferentes de polieti-
leno (por exemplo, LDPE/HDPE).
3. Copolimeros de monoolefinas e diolefinas um com outro ou

com outros mondmeros de vinila, por exemplo, copolimeros de etileno/ propi-



10

15

20

25

30

18

leno, polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e misturas do mesmo
com o polietileno de baixa densidade (LDPE), copolimeros de propileno/ bu-
teno-1, copolimeros de propileno/isobutileno, copolimeros de etileno/buteno-
1, éopolimeros de etileno/hexeno, copolimeros de  etileno/metilpenteno, co-
polimeros de etileno/hepteno, copolimeros de etileno/obteno, copolimeros de
etileno/vinilcicloexano, copolimeros de etileno/ciclooléfina (por exemplo, eti-
leno/norborneno, como o COC), copolimeros de etileno/1-olefinas, onde a 1-
olefina é gerada in situ; copolimeros de propileno/butadieno, copolimeros de
isobutileno/isopreno, copolimeros de etileno/vinilcicloexeno, copolimeros de
etileno/acrilato de alquila, copolimeros de etileno/metacrilato de alquila, co-
polimeros de acetato de etileno/vinila ou copolimeros de etileno/acido acrili-
CO e 0s seus sais (iondbmeros) bem como terpolimeros de etileno com propi;
leno e um dieno, tais como hexadieno, diciclopentadieno ou etilideno-norbor-
neno; e misturas de tais copolimeros um com o outro e com polimeros men-
cionados em (1) acima, por exemplo, polipropileno/copolimeros 'de etileno-
propileno, copolimeros de LDPE/etileno-acetato de vinila (EVA), copolimeros
de LDPE/etileno-acido acrilico (EAA), LLDPE/EVA, LLDPE/EAA ebopoll’me-
ros alternados ou aleatérios de polialquileno/monéxido de carbono e mistu-
ras dos mesmos com outro polimero, por exemplo, as poliamidas.

| 4. Resinas de hidrocarboneto (por exemplo, Cs-Co) incluindo
modificagdes hidrogenadas das mesmas (por exemplo, ligantes) e misturas
de polialquilenos e amido;

Os homopolimeros e copolimeros acima mencionados podem ter
uma estrutura estérea incluindo sindiotatica, isotatica, hemiisotatica e atatica;
onde o polimero atatico € o preferido. Os polimeros em bloco estéreos tam-
bém estdo incluidos. _

5. Poliestireno, poli (p-metilestireno), poli (a-metilestireno).

6. Homopolimeros aromaticos e copolimeros derivados de mo-
némeros aromaticos de vinila incluindo estireno, a-metilestireno, todos os
isdbmeros do vinil tolueno, particularmente p-vinil tolueno, todos os isdmeros
de etil estireno, propil estireno, vinil bifenila, vinil naftaleno, e vinil antraceno,

e misturas dos mesmos. Os homopolimeros e copolimeros podem ter uma
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estrutura estérea incluindo sindiotatica, isotatica, hemiisotatica ou atética;
onde o polimero atatico é o preferido. Os polimeros em bloco estéreos tam-
bém estao incluidos;

a) Copolimeros incluindo os monémeros aromaticos de vinila a-
cima mencionados e os comondmeros selecionados de etileno, propileno,

dienos, nitrilas, acidos, anidridos maléicos, maleimidas, acetato de vinila e

cloreto de vinila ou derivados acrilicos e misturas dos mesmos, por exemplo,

estireno/butadieno, estireno/acrilonitrila, estireno/etileno (interpolimero), esti-
reno/metacrilato. de alquila, estireno/butadieno/acrilato de alquila, estireno/
butadieno/metacrilato de alquila, estireno/anidrido maléico, estireno/ acriloni-

trila/acrilato de metila; misturas de alta forga de impacto de copolimeros do

estireno e outros polimeros, por exemplo, um poliacrilato, um polimero dieno
ou um terpolimero etileno/propileno/dieno; e copolimeros em bloco dé esti-
reno, tal como estireno/butadie'no/estireno, estireno/isopreno/estireno, esti-
reno/etileno/butileno/estireno, ou estireno/etileno/propileno/estireno.

| b) Polimeros aromaticos hidrogenados derivados da hidrogena-
¢ao dos polimeros mencionados no item (6), particularmente incluindo o po-
licicloexiletileno (PCHE) preparado por hidrogenagéo atatica do poliestireno,
frequientemente mencionado como polivinil cicloexano (PVCH).

c¢) Polimero aromatico hidrogenado derivado da hidrogenagéo do
polimero mencionado no item 6a). Os homopolimeros e copolimeros podem
ter uma es'trut'ura estérea incluindo sindiotatica, isotatica, hemiisotatica ou
atatica; onde o polimero atatico é o preferido. Os polimeros em bloco esté-
reos também estao incluidos.

7. Cdpolimeros de enxerto de mondmeros aromaticos de vinila,
tal como estireno ou a-metilestireno, por exemplo, copolimeros de estireno
em polibutadieno, de estireno em polibutadieno-estireno ou em polibutadie-
no-acrilonitrila; estireno e acrilonitrila (ou metacrilonitrila) em polibutadieno;
estireno, acrilonitrila e metacrilato de metila em polibutadieno; estireno e ani-
drido maléico em polibutadieno; estireno, acrilonitrila e anidrido maléico ou
maleimida em polibutadieno; estireno e maleimida em polibutadieno; estireno

e acrilatos de alquila ou metacrilatos de alquila em polibutadieno; estireno e
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acrilonitrila em terpolimeros de etileho/propileno/dieno; estireno e acrilonitrila
em poli(acrilatos‘ de alquila) ou poli(metacrilatos de alquila), estireno e acrilo-
nitrila em copoh’meros de acrilato/butadieno, bem como misturas dos mes-
mos com 0s copolimeros listados no item (6), por exemplo, misturas de co-
polimeros conhecidas como polimeros ABS, MB, ASA ou AES.

8. Polimeros contendo halogénio, tal comb policloropreno, borra-
cha clorada, copolimero de isobutileno-isopreno clorada e bromada (borra-
cha halobutilica), polietileno clorado ou sulfoclorado, copolimeros de etileno
e etileno clorado, homopolimeros e copolimeros da epicloridrina, especial-
mente polimero de compostos de vinila contendo halogénio, por exemplo,
poli(cloreto de vinila), poli(cloreto de vinilideno), poli(fluoreto de vinila), po-
li(fluoreto de vinilideno), bem como copolimeros dos mesmos, tal como co-
polimeros de cloreto de vinila/cloreto de vinilideno, cloreto de vinila/ acetato
de vinila ou cloreto de vinilideno/acetato de vinila.

9. Polimeros derivados de éacidos a,B-insaturados e‘r derivados
dos mesmos, tais como poliacrilatos e polimetacrilatos; poli(metacrilato de
metila), poliacrilamidas e poliacrilonitrilas, acrilato de butila modificado por
impacto. o

10. Copolimeros dos mondémeros mencionados no item (9) com
cada um ou com outros mondmeros insaturados, por exemplo, copolimeros
acrilonitrila/butadieno, copolimeros de acrilonitrila/acrilato de alquila, copoli-
meros de acrilonitrila/alcoxiacrilato de alquila ou copolimeros de acrilonitri-
la/haleto de vinila, ou terpolimeros de acrilonitrila/metacrilato de alqui-
la/butadieno.

11. Os polimeros derivados de alcoois e aminas insaturados ou
derivados acila ou acetais dos memsos, por exemplo, poli(alcool vinilico),
poli(acetato de vinila), poli(estearato de vinila), poli(benzoato de vinila), po-
lilmaleato de vinila), poli(butirato de vinila), poli(ftalato de alila) ou polialil me-
lamina; bem como seus copolimeros com as olefinas mencionado no item
(1), acima. '

12. Homopolimeros e copolimeros de éteres ciclicos, tais como

polialquileno glicol, éxido de polietileno, 6xido de polipropileno ou copolime-
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ros dos mesmos com éteres de bisglicidila.

13. Poliacetais, tal como o polioximetileno e aqueles polioximeti-
lenos contendo o 6xido de etileno como um co-mondmero; poliacetais modi-
ficados com poliuretano termoplastico, acrilatos ou MBS. . _

14. Oxidos e sulfetos de polifenileno, e misturas de éxido polife-
nileno com polimeros de estireno ou poliamidas.

15. Poliuretanos derivados de poliéteres, poliéster ou polibutadi-
enos com terminagéo hidroxila de um lado e poiisocianatos alifaticos ou a-
romatico de outro, bem como os precursores dos mesmos.

16. A poliamida e copoliamidas derivadas de diaminas e acidos

-dicarboxilicos e/ou de acidos aminocarboxilicos ou as lactamas correspon-

dentes, por exemplo, poliamida 4, poliamida 6, poliamida 6/6, 6/10, 6/9, 6/12,
4/6, 12/12, poliamida 11, poliamida 12, poliamida aromética comegéndo a
partir de m-xileno diamina e écido adipico; as poliamidas preparadas a partir
da hexametilenodiamina e do acido isoftalico ou/e acido tereftalico e com ou
sem um elastdmero como modificador, por exemplo, poli-2,4,4,-trimetil he-
xametileno tereftalamida ou poli-m-fenileno isoftalamida; e também copoli-
meros em bloco da poliamida acima mencionada com poliolefinas, copolime-
ros de olefinas, iondmeros ou elastémeros quimicamente ligados ou enxer-
tados; ou com poliéteres, por exemplo, com polietileno glicol, polipropileno
glicol ou poli-tetrametileno glicol; bem como as poliamidas ou copoliamidas
modificadas cdm EPDM ou ABS; e a poliamida condensada durante o pro-
cessamento (sistemas RIM de poliamida).

17. Poliuréia, poliimidas, poliamida imidas, poliéter imidas, poli-
éster imidas, poliidantoinas e polibenzimidazdis. | '

18. Poliéster derivado de &cidos dicarboxilicos e didis e/ou de a-
cidos hidroxicarboxilicos ou lactonas correspondentes, por exemplo, terefta-

‘lato de polietileno, tereftalato de polibutileno, tereftalato de poli-1,4-dimetil-

cicloexano, polialquileno naftalato (PAN) e poliidroxibenzoatos, bem como

ésteres de copoliéteres em bloco derivados de poliéteres com terminacgdes

hidroxilas; e também poliésteres modificados com policarbonatos ou MBS.
19. Policetonas.
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20. Polissulfanos, poliéter sulfonas e poliéter cetonas.

21. Misturas dos polimeros acima mencionados (polirhisturas),
por exemplo, PP/EPDM, Poliamida/EPDM ou ABS, PVC/EVA, PVC/ABS,
PVC/MBS, PC/ABS, PBTP/ABS, PC/ASA, PC/PBT, PVC/CPE, PVC/ acrila-
tos, POM/PUR termoplastico, PC/ PUR termoplésticd, POM/acrilatos, POM/
MBS, PPO/HIPS, PPO/PA 6.6 e copolimeros, PA/HDPE, PA/PP, PA/PPO,
PBT/PC/ABS ou PBT/PET/PC.

O componente (a) é acrescentado ao substrato do componen-
te (b) em uma quantidade de aproximadamente 0,001% a 5,0% em peso,
preferivelmente '0,01% a 2,0% em peso e o mais preferivelmente 0,04% a
0,5% em peso. ,

Uma modalidade adicional de acordo com a presente invengéb
refere-se a um processo para fornecer o retardamento de chama a um subs-
trato polimérico compreendendo o policarbonato ou misturas de policarbona-
tos, cujo processo compreende a adi¢gdo ao substrato polimérico 6 sal de um
acido sulfénico aromatico selecionado como definido acima.

Componentes Adicionais.

A presente invengdo imediata, além disso, pertence a uma com-
posicao, compreendendo, além dos componentes (a) e (b), tal como definido
acima, novos aditivos selecionados do grupo consistindo nos assim chama-
dos agentes antidispersado, estabilizadores de polimero e retardantes de
chama adicionais, tais como retardantes de chama contendo fésforo, retar-
dantes de chama contendo nitrogénio, retardantes de chama halogenados e
retardantes de chama inorganicos.

De acordo com uma modalidade preferida, a presente invengao
refere-se a uma composigdo que adicionalmente.compreende os componen-
tes adicionais assim chamados agentes antidispersante. _

Estes agentes antidispersante reduzem o fluxo fundido da com-
posic¢ao do policarbonato e inibem a formagao de quedas em altas tempera-
turas. Varias referéncias, tais como a Especificagdo de Patente US Ne
4.263.201, descrevem a adicdo de agentes antidispersante para policarbo-

natar a composigoes de retardantes de chama.
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Os aditivos adequados que inibem a formagao de baixas em al-
tas temperaturas incluem fibras de vidro, politetrafluoretileno (PTFE), elas-
tomeros de alta temperatura, fibras de carbono, esferas de vidro e similares.

A adicao de polissiloxanos de diferentes estruturas foi proposta
em varias referéncias; cf. A Especificagdo de Patente US N° 6.660.787,
6.727.302 ou 6.730.720.

} De acordo com uma modalidade especifica da presente inven-
¢ao um composto de (poli)carbonato da féormula:

_ ' R R, :
ﬁ Bl
R—X;—0—+C—0 Y -0—-C—O0—X;—R, (1),
RG : RB m

- em que:

Ri e R independentemente um dov outro representarh um grupo
alifatico substituido pelo fluor;
X1 e Xz independentemente um do outro representam uma liga-
¢ao reta ou alquileno(C1-C12);
0 m representa um numeral de 1 a 1000; ,
" Rs, Re, R} e Rs independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(Cs-C12) ou alquenil(Cs-C12); €
- O Y representa uma ligagao reta ou um grupo bivalente selecio-

R R
a\lrb o

nado do grupo consistindo em -O-, -S-, -SO-, -SO,-, ~C— ,—P;—

Tanto o R, como R, representam o hidrogénio ou o halogénio;

Um do R, e Ry, representa o hidrogénio e outro representa o ha-
logénio;

Rs e Rs, em conjunto com o atomo de carbono com o qual eles
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séo ligados, formam um grupo Cs-Cs-cicloalquilidene com 1 a 3 grupos al-
quil(C+-C4) como substituintes opcional; ou

Rs e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio, um grupo alifatico substituido pelo flaor, alquil(C+-Cy2), alquil(C1-C12)

5  substituido por carbéxi, alquenil(C,-Cy,), arila, ou o grupo da férmula parcial

_@{ @ @ F_o_xz -

em que _
n representa um numeral de 0 a 10.000; e
X2, Y, Ro, Rs, Rg, Ry € Relséo tal como definidos acima.
No Composto de (poli)carbonato (1), tal como definido acima, os
10  substituintes sdo definidos como se segue:
R; e Rz independentemente um do outro representam um grupo
alifatico substituido pelo fluor,
X1 e Xz independentemente um do outro representam uma liga-
¢éao reta ou alquileno(C1-C12); . '
15 : m representa um numeral de 1 a 1000;
' Rs, Re, R7 € Rs independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C+4-C12) ou alquenil(C3-C12); e
0 Y'representa uma ligagao reta ou um grupo bivalente selecio-
nado do grupo consistindo em:

R.~_R,
o Ry

-0-, -S-,-80-,-80,-, —C—  _{__ ¢ —C— . emque
20 ~ Tantoo Ra como R, representam o hidrogénio ou halogénio; ou

Um dos R, e Ry representa o hidrogénio e o outro represenfa o]
halogénio; '
Rs e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o QUaI eles
sao ligados, formam um grupo cicloalquilideno(Cs-Cs) com 1 para 3 grupos
25 alquil(C4-C4) como substituintes opcionais; ou
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Rs e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio, um grupo alifatico substituido pelo flaor, alquil(C4-C+2), alquil(C1-C+2)
substituido por carbdxi, alquenil(C,-C12), arila, ou o grupo (A), tal como defi-
nido acima, em que n representa um numeral de 0 a 10.000 e Xz, Y, Ry, Rs,
Re, Rz e Rg sé@o tal como definidos acima.

Ry e Ry definidos como um grupo alifatico substituido pelo fltor

‘sao preferivelmente uma cadeia reta ou ramificada ou grupo de hidrocarbo-

neto, contendo pelo menos um atomo de fluor e pelo menos um atomo de
hidrogénio, por exemplo, flior-alquil(C4-Czs), ou é um grupo perfluoroalquila
da féormula parcial

-(CF2)pF(B),

Na qual p € um numeral de 1 a 100.

O fluor-alquil(C4-Cazs) € por exemplo, mono- ou difluorométila, 2-
fluoroetila, 3-fluoropropila, 4-fIUorobutiIa, 5-fluoropentila, 6-fluoroexila, 7-
fluoroeptila, ou pentafluorobutila.

| Perfluoroalquila é um grupo (B) derivados do alcool perfluoro

F(CF2),-OH em que p varia de 1 a 50, por exemplo, trifluorometila (p = 1) ou
pentafluoroetila (p = 2). Os grupos perfluoroalquila preferidas séo formas.
derivadas de perfluoro alcooisem que p é 5, 8, 9 ou 11.

X1 e X, definidos como-alquileno(C+-C12) sdo um grupo bivalente

‘ramificado ou néo ramificado, por exemplo, metileno, etileno, propileno, tri-

metileno, tetrametileno, pentametileno, hexametileno, heptametileno, octa-
metileno, decametileno ou dodecametileno. Uma das definigcbes preferidas
de X; e Xz é alquileno(C+-Cs), por exemplo, alquileno(C,-Cg). Uma definicdo
especialmente pfeferida de X; e Xz é alquileno(C,-C,), por exemplo, etileno.

Rs, Re, R7 € Rg definidos como alquil(C4-C42) sdo uma cadeia re-

ta ou, onde possivel, um radical ramificado, por exemplo, metila, etila, propi-

la, isopropila, n-butila, sec-butila, isobutila, terc-butila, 2-etilbutila, n-pentila,

isopentila, 1-metilpentila, 1,3-dimetilbutila, n-hexila, 1-metilexila, n-heptila,
isoheptila, 1,1,3,3-tetrametilbutila, 1-metileptila, 3-metileptila, n-octila, 2-etil-
exila, 1,1,3-trimetilexila, 1,1,3,3-tetrametilpentila, n-nonila, n-decila, n-unde-

cila, 1-metilundecila ou n-dodecila. Uma das definicdes preferidos &, por e-
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xemplo, alquil(C4-Cs), por exemplo, alquil(C+-C4), tal como metila.

Rs, Rs, R7 € Rg definidos como alquenil(C3-Cy2) sdo uma cadeia
reta ou, onde possivel, um radical ramificado, por exemplo, alila, 2-butenila,
3-butenila, isobutenila, n-2,4-pentadienila, 3-metil-2-butenila, n-2-octenila, n-
2-dodecenila ou isododecenila.

Y é definido como um grupo bivalente da formula parcial
R R

a\lr b
—C— ¢ preferivelmente metileno (CH. =, R, € Ry = H). Segundo as moda-
lidades alternativas, tanto 0 R, como Ry, representam o hidrogénio ou o ha-
logénio, por exemplo, cloro ou bromo, ou um dos R, e Ry representa o hi-
drogénio e outro representa o halogénio.

Rs e R4 definidos como um grupo (Cs-Cg)-cicloalquilideno com 1
a 3 grupos alquil(C4-C4) como substituintes opcional sdo, por exemplo, ciclo
pentilideno, metilciclo pentilideno, dimetilciclo pentilideno, cicloexilideno, me-
tilcicloexilideno, dimetil cicloexilideno, trimetil cicloexilideno, terc-butil cicloe-
xilideno, cicloeptilideno ou ciclooctilideno. A preferéncia é dada a cicloexili-
deno. o

Rs e R4 definidos como um grupo alifatico substituido pelo fldor
estao, por exemplo, fluor-alquil(C+-Czs), tal como definida acima, ou sdo o
grupo perfluoroalquil supracitado (B), em que p é de 1 a 50.

Rs e R4 definidos como alquil(C4-C12) sdo como definidos acima
quanto a Rs, Rs, R; € Rs.

Rs e R4 definidos como alquil(C1-C12) substituido por carbdxi sao,
por exemplo, carboximetila ou 1-carboxietila ou 2-carboxietila.

Rs e R4 definidos como arila sdo preferivelmente fenila ou 1-
naftila ou 2-naftila. _ _

No grupo (A) o indice o n representa um numeral de 0 a 10.000
e X2, Y, Ry, Rs, Re, Ry e Rg sao tal como definidos acima.

De interesse particular estdo os compostos de (poli)carbonato
(1), em que ’ ’

Rs e Rz independentemente um do outro representam um grupo

alifatico substituido pelo fltor;
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Xy e Xz independentemente um do outro representam alquile-
no(C4-Ciz2);
m representa um numeral de 1 a 1000;

Rs, Re, R7 € Rg representam o hidrogénio;
R
L 13 L
Y representa o grupo bivalente —<':— , €m que independente-

R,

‘mente um do outro R3 e R4 representam o hidrogénio, -CFs, alquil(C-C12),

fenila ou o grupo (A), em que n representa um numeral de 0 a 10.000 e Xo,
Y, Rz, Rs, Re, R7 € Rs sdo como definidos acima ou Rz e R4, em conjunto
com o atomo de carbono ao qual eles sdo ligados, formam o grupo cicloexili-

‘denocom 1a 3 grupos alquil(C4-C,) como substituintes opcionais.

De interesse particular sdo também os compostos de (po- ,
li)carbonato (1), em que R; e R» independentemente um do outro represen-

“tam grupos (B), em que p é um numeral de 1 a 50.

De interesse especial sao compostos de (poli)carbonato (1), em
que p é um numeral de 4 a 15. | -
De interesse muito especial sdo compostos de (poli) carbona-
to (1), em que: '
"Ry e R i‘ndependentemente um do outro representam grupos
(B), em que p € um numeral de 1 a'50;
X1 e Xe independentementes um do outro representam alquile-
no(Cz-Cg);
m representa um numeral de 1 a 1.000;

Rs, Re, Ry e Rg representam hidrogénio; e
: R
. N
Y representa o grupo bivalente —(I:— , em que
R

4

Rs; representa o hidfogénio, -CF3, alquil(C4-Cy2), fenila ou o gru-

.po (A), em que o numeral n representa um numeral de 0 a 10.000 e X,, Y,

Rz, Rs, Re, R7 € Rg séo tal como definidos acima ou Rs e R4, em conjunto
com o atomo de carbono ao qual eles sdo ligados, formam o grupo cicloexili-

deno com de 1 a 3 grupos alquil(C;-C4) como substituintes opcionais.
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De alto interesse sdo os compostos de (poli)carbonato (1), em
que Rz e Ry independentemente um do outro representam o hidrogénio ou
alquil(C4-C,); ou R3 e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o qual
eles séo ligados, formam o grupo cicloexilideno.

Particularmente preferido sdo também | compostos de (po-
li)carbonato (1), em que o m é um numeralde 1 a 50; e n é um numeral de 0
a 50.

Os compostos de (poli)carbonato (1) estdo preparados por mé-
todos conhecidos. Um fldor alcool é tratado com o bis-(2,4-dinitrofeni|) car-
bonato (DNPC) 'para fornecer o carbonato de 2,4-dinitrofenila do fluoroalcool
in situ. Este derivado pode ser isolado e tratado separadamente, por exem-
plo, por oligbmeros de bisfenol A terminados por hidréxi de varios pesos mo;
leculares.

| Brunelle et al., Macromolecules 1991, 24, 3035-3044, descrevem
0 uso do bis(2,4-dinitrofenil)carbonato da preparagéo de dl’merosve oligbme-
ros ciclico de bisfenol A. As reagdes de unido também podem ser realizdas
por reagentes de formagéo de ligagdo carbonato, tais como fosgénio ou car-
bonil diimidazol (CD-I). f

Fluor éalcoois preferidos sado, por exemplo, os assim chamados
alcoois fluorotelomeros. Estes estao, por exemplo, comercialmente disponi-
veis pela DuPont ou Aldrich como Zonil® BA-L.

Bisfénois preferidos como materiais de partida sao, por exemplo,

o bisfenol A e os compostos das férmulas:

CH,

CH, CH,
S CH,
H

CH,
HO OH
C(CHy),  C(CHy), HO OH

C(CH,), C(CH,),



15

20 .

| HSC\ /CH3
: C
| I

De acordo com uma modalidade alternativa um composto de

“(poli)carbonato da férmula:

Re

Ry R, o R 8,
: I
R—X—Y; R 0—C—o0 Rs i xR, (2),
) RG Ra . m RG '

é acrescentado, em que:
Ro representa uma ligagao reta ou um grupo bivalente selecio-
R ‘ 9

“nado do grupo selecionado de, —c:;— -O-, -S-, -SO-, -SOs- e —Cc— ;

R

4
’

R: e Rz independentemente um do o'utro representam um grupo
contendo silicio;

R3 e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio, um gr'upo alifatico substituido pelo fldor, um grupo contendo silicio, al-
quil(C1-C+2), alquil(C4-C12) substituido por carbdxi, alquenil(C,-Ci2), arila, ou
um grupo da férmula parcial:

. R R, Ry R,
i R
Oo—c—o R; 0—C—0 R; Y;i—X: R,
Rs Rs " RG RB (C),

ou Rs e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o qual eles sao liga-
dos representam cicloalquilideno(Cs-Cg) ou cicloalquilideno(Cs-Cg) que é

substituido por 1 a 3 grupos alquil(C1-C.);

Rs, Re, Rz € Rg independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C1-C12) ou alquenil(Cs-C12);

X; e Xz independentemente um do outro representam uma liga-
¢ao reta, alquileno(C+-C+2) ou alquileno(Cs4-Cas) interompido por -O-;
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Y, e Y2 independentemente um do outro representam uma ligagao reta ou
um grupo bivalente selecionado do grupo consistindo em: -O-,

i i i i
—0-R;7C— , —C—Ry0O—, —C—RyNH—, —O0—R;C—R7—0—
i o o
—0—R;C—Rg—NH—, —¢—CH—0—, —0—GH-C— e
F‘11 R12 I:§‘12 R“
?RM
5  —O—CHyCH—CHzO— :

Ry e Ry independentemente um do outro representam uma liga-
¢éo reta ou alquileno(C4-C,);
Ri1, Ri2 € Ry3 independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C+-C12) ou alquenil(Cs-C12);
10 Ri4 representa o hidrogénio, alquil(C4-C42) ou um grupo conten-
do silicio, '
m representa um numeral de 0 a 10.000; e
n representa um numeral de 0 a 10.000.
No composto de (poli)carbonato (2), tal como definido acima, os
15  substituintes sdo definidos como se segue: o
Ro representa uma Iigggéo reta ou um grupo bivalentg selecio-
nado do grupo consistindo em —g— , -O-, -S8-, -SO-, -SO.- € —-'cl;— ;
R4
R, e Rz independentemente um do outro representam um grupo
contendo silicio; | |
20 Rs e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio, um grupo alifatico substituido pelo fltior, um grupo contendo silicio, al-
quil(C1-C12), alquil(C4-C42) substituido por carbéxi, alquenil(C2-Cs2), arila, ou
um grupo da férmula parcial:

[\ R, Rs ) R,
ﬁ i
Oo—c—o R; 0—C—0 Rs Yi—X%—R, (O
Re Ry " Ry Ry

ou R3 e R4, em conjunto com o 4&tomo de carbono com o qual e-
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les sdo ligados representam cicloalquilideno(Cs-Cs) ou cicloalquilideno(Cs-
Cs) que é substituido por 1 a 3 grupos alquil(C-C4);

Rs, Re, R7 € Rg independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C4-C12) ou alquenil(C3-C12); ' ,

Xy e Xz independentemente um do outro representam.uma liga-
¢ao reta, alquileno(C+-C12) ou C4-Casalquileno interrompido por -O-;

Y1 e Yz independentemente um do outro representam uma liga-

¢ao reta ou um grupo bivalente selecionado do grupo consistindo em: -O-,
0

0] O
i [l Il [l
—O0-Rz7C— , . —C—Rj0—, —C—RyNH—, —O0—R;7C—R{zO0—,
Iol ' (IJ/R13 _ » ' ?/Rm
—O0—R;C—R7—NH— | —G¢—CH—0—, —O—CH-C—
Ry Ry Rz Ry

e —O—CH;CH—CH;0— ;
Ry e Rio independentemente um do outro representam uma liga-
¢ao reta ou alquileno(C4-Ca);
Ri11, Ri2 e Ry3 independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C+-C12) ou alquenil(C3z-C12);
- R14 representa o hidrogénio, alquil(C1-C12) ou um grupo conten-
do silicio; |
m representa um numeral de 0 a 10.000; e
n representa um numeral de 0 a 10.000.

Um grupo: contendo silicio preferivelmente representa um grupo

F"w F|‘19
—§i O_?i R, (D),
Rig Rao
p

Ri7, Ris, Rig € Ry independentemente um do outro representam

da formula parcial:

em que:

alquil(C1-C12), alquil(C4-Cq2) substituido com hidréxi ou amino; hidroxial-
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quil(C4-C12) interrompido com -O-; ou representa um grupo da férmula parci-
al:

em que:
R21 representa alquil(C4-C42) ou um grupo da férmula parcial:

Ry

_O_?i—Rze (F)
Ry

5 R, Ras, Rz4, Ras, Ros, Rez, Ras € Reg independentemente um do
outro representam alquil(C4-C12) ou alquil(C4-C12) substituido por hidroxi ou
amino; | |

p representa 0 a 200; e
q representarri 0 a 200. _

10 De interesse especial como um grupo contendo silicio é'um gru-

po da férmula parcial (D), em que:

Ri7, Ris, Rig € Ry independentemente um do outro representam

metila ou um grupo da férmula parcial:

F|‘22 I?24
1O T R ),
R23 R26

= —-q

R21 representa metila ou um grupo da férmula parcial:
Ry

077 Ra (),
R29

15 Ra22, R23, Ras, Ros, Ras, R27, Ros € Rag 880 metila; e
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p e q independentemente um do outro representam de 0 a 100.
» De interesse particular sdo compostos de (poli)carbonato (2), em
que: '
. ?3 |
Ro representa o grupo bivalente ——c':— ;
I

4
R+ e Rz independentemente um do outro representam um grupo
contendo silicio; '

Rs e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-

~nio, trifluorometila, um grupo contendo silicio, alquil(C4-C12), fenila ou o gru-
po (C); ou

Rs e R4, em conjunto com o 4tomo de carbono com o qual eles
sao ligados representam cicloalquilideno(Cs-Cg) ou cicloalquilideno(Cs-Csg)
que é substituido por 1 a 3 grupos aiquiI(C1-C4);

Rs, Rs, Ry e Rg s@0 hidrogénio;

Xy e X independentemente um do outro representam alquile-
no(C+-C12) ou C4-Cosalquilene inter roto por -O-;

Y1 e Yz independentemente um do outro representam uma liga-
¢ao reta ou um grupo bivalente selecionado do grupo consistigdo em: -O-,

i i i I
-—0—-R;-C— , —C—R570—, . —C—RjsNH— | —O—R;-C—R;50— ,
o o™ o
—O0—R;C—R;5—NH— | —(':—(I;H—o— . _-O_(PH—(I:_ | e
R11 R12 ' R12 Rﬂ
(I)R14

—O0—CHz;~CH—CH;-0— ;

Rs e R1o independentemente um do outro representam uma liga-
¢éo reta ou metileno;

Ri1, Ri2 e Ry3 independentemente um do outro representam o
hidrogénio, alquil(C1-C4) ou anueniI(Cs;C4);

R4 representa o hidrogénio ou alquil(C+-C12);

m representa 0 a 10.000; e

n representa 0 a 10.000.

De interesse muito especial sao os compostos de (poli) carbona-
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to (2), em que:
R
Ro representa o grupo bivalente —cI:— ;

Ra

Rs representa o hidrogénio, -CF3, alquil(C4-C12), fenila ou o gru-
po (C); |

R4 representa -CF3, alquil(C1-C12) ou fenila; ou

Rs e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o qual eles
sao ligados, formam um grupo cicloalquilideno(Cs-Cg) ou cicloalquilidéno(Cs-
Cs) que é substituido por 1 para 3 grupos alquil(C4-Ca);

Rs, Rs, R7 e Rg representam o hidrogénio; ,

X1 e Xz sdo cada um independentemente de um ou outro repre-
sentam alquileno(C1-C2) ou alquileno(C4-Cas) interrompido por -O-;

Y1 eng independentemente um d'o outro representam uma liga-
¢ao reta ou um grupo> bivalente selec(:)ionado do grupo consistindo em -O-,
—O-—CHZ—(('?:ECHZ—O— ;

o
I I : I
—0-RyC— , —C—RyO—, —O—R;C—RgO0— _

Rs e Ryo independentemente um do outro representamv uma liga-
¢40 reta ou metileno; |

R14 representa o hidrogénio ou alquil(C¢-C12);

m representa 0 a 10000; e

n representa 0 a 10000.

De interesse sdo também compostos de (poli)carbonato (2), em
que:

Rs e R4 independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C+-C,); ou

Rs e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o qual eles
sao ligados, formam o grupo cicloexilideno. '

Preferidos sdo os compostos de (poli)carbonato (2), em que X, e
Xa iyndependentemente um do outro representam alquileno(C.-Cg) ou alquile-
no(C4-Cas) interrompido com -O-. | |

Também preferido sao compostos de (poli)carbonato (2), em que
o m representa de 0 a 100, e n representa de 0 a 100.
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De interesse muito especial sdo compostos de (poli) carbona-

to (2), em que:
. '?s
Ro representa o grupo bivalente —?—f ;

: R

s
_ Rs e R4 independentemente um do oUtro representam alquil(C;-
Ca); ou
Rs e R4, em conjunto com o atomo de carbono com o qual eles
sao ligados, formam o grupo cicloexilideno;
Rs, Re, R7 € Rg representam o hidrogénio;
X1 e Xz independentemente um do outro representam alquile-

' no(C»-Cy4) ou alquileno(C4-Czs) interrompido com -O-;

Yie Yz independentemehte um do outro representam uma liga-
¢ao reta gu um grl(J)po bivalente se'lecionaodo do grupo consistindo em -O-,
—-o—Rg—g— , —|C|3—R9—O— e —o—Rg—Ié—R;o—o— ;
_ Re e Rio independentemente um do outro representam uma liga-
¢éo reta ou metileno;
m representa de 0 a 100, e
- nrepresentade 0 a 100. |
Em um composto de (poli)carbonato (2) o alquil(C1-C12) é uma
cadeia reta ou, onde possivel, grupo alquila ramificado, que é o mesmo tal
como defin"ido'acima' quanto aos compostos de (poli)carbonato (1). .
" Rgs e Rq definidos como alquil(C4-C12) substituido por carbdxi sao
preferivelmente carboximetila ou 1- ou 2-carboxietila.
Rs e R4 definidos como arila preferivelmente represehtam fenila
ou fenila substituida por 1 a 3 grupos alquil(C4-Cj), por exemplo, metila.

Rs, Rs, Rs, Re, R7 e Rg definidos como alquenil(C2-C12) represen-

tam uma cadeia reta ou, onde possivel, grupo alquenila ramificado, que é o

mesmo tal como definido acima quanto a compostos de (poli)carbonato (1).

Rs e R4 definidos como cicloalquilideno(Cs-Cg) ou cicloalquilide-
no(Cs-Cg) que é substituido por 1 para 3 grupos alquil(C4-C4) sdo como defi-
nidos acima quanto a compostos de (poli)carbonato (1).
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X4, e Xo, definidos como alquileno(C4-C12) e Rg e Ry definidos
como alquileno(C1-C4) representam a cadeia reta ou, onde _possivei, grupos
alquilenos ramificados tal como definido acima quanto a compostos de (po-
li)carbonato (1).

X4, e X, definidos como alquileno(C4-Cas) interrompido com -O-
sdo a cadeia reta ou, onde possivel, ramificada, pdr exemplo- -CH2CH,-O-
CHxCHy-, -CH2CH.CH»-O-CH,CHy-, -CHoCH,CH,-O-CH,CH.CH2-  ou
-CH2CH;-0O-CH2CH,-O-CH,CHo-.

Alquil(C4-C+2) substituiu com hidréxi ou amino é, por exemplo,
hidroximetila, 1-'ou 2-hidroxietila, aminometila ou 1- ou 2-aminoetila.

Hidroxialquil(C4-C+2) interrompido com -O- é por exemplo
-CH2CH2-0-CHzCH,OH ou -CH2CH,-0-CH,CH,-O-CH,CH,OH. |

Um grupo contendo flior € um radical ramificado ou nao ramifi-
cado, contendo pelo menos um atomo fltor, por exemplo, flior-alquil(Cs-
Cazs); ou € o grupo (B), em que p é de 1 a 50. :

Flaor-alquil(C4-Cazs) é por exemplo, perfluoroalquila, fluorometila,
2-fluoroetila, 3-fluoropropila, 4-fluorobutila, 5-fluoropentila, 6-fluordhexila', 7-
fludroheptila, difluorometila, trifluorometila, pentafluoroetila, pentafluorobutila.

Os compostos de (poli)carbonato (2) sdo obteniveis por métodos
conhecidos. Um alcool de silicio é tratado com o bis(2,4-dinitrofenil) carbona-
to (DNPC) para dar o carbonato 2,4-dinitrofenil do alcool de silicio in situ.
Este derivado pode ser isolado e tratado separadamente, por exemplo, por
oligbmeros de bisfenol A terminados por hidréxi de varios pesos molecula-
res. Brunelle et al., Macromolecules 1991, 24, 3035-3044, descrevem 0 uso
do carbonato de bis(2,4-dinitro fenil) para preparagao de dimeros e oligome-
ros ciclicos de bisfenol A. As reagdes de unido também podem ser executa-
das por reagentes de formagao de ligagdo carbonato, tais como fosgénio ou
carbonil diimidazol (CDI). ' |

Os grupos contendo silicio particularmente preferidos sao deri-
vados de monoidréxi polissiloxanos, em que p=10; polissiloxanos, em qué
p=64; o 6xido de polialquilene modificado heptametil trisiloxanos; ou 3-

(polioxietileno) propileptametiltrisiloxéno. As formulas estruturais representa-
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tivas sao mostradas abaixo:
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Materiais de partida de bisfenol preferido sdo o mesmo que a-
quéles acima mencionados quanto a preparagdo dos compostos de (po-
li)carbonato (1). .

' Os compostos de (poli)carbonato (1) ou (2) sao acrescentados
ao substrato do componente (b) em uma quantidade de aproximadamente
0,01 a 5,0% em peso e preferivelmente de 0,2‘5 a 1,0% em peso. A adigao
de misturas de compostos de (poli)carbonato (1) ou (2) é sugerida.

De acordo com outra modalidade a presente invencéo refere-se
a uma composi¢ao que adicionalmente compreende também aditivos em
selecionado do grupo consistindo em estabilizadores de polimero e retardan-
tes de chama adicional.

Os estabilizadores séao preferivelmente sem halogénio e selecio- -
nados de estabilizadores de nitroxila, estabilizadores nitrona, amina estabili-
zadores de oxido, estabilizadores benzofuranona, fosfito e estabilizadores
fosfonito, estabilizadores de metideo quinona e estabilizadores monoacrila-
tos ésteres de 2,2'-alquilidenobisfenol.

Retardantes de chama adicionais sao componentes conhecidos
como produtos comerciais ou podem ser obtidos por métodos conhecidos.

Os representantes retardantes de chama contendo fosforo, além
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daqueles definidos acima quanto ao componente b) sao por exemplo:

Difdsfito tetrafenil resorcinol (FYROLFLEX® RDP, Akzo Nobel),
sulfeto de tetraquis (hidroxi metil)fosfénio, fosfato de trifenila, fosfonato de
dietil-N,N-bis-aminometil (2-hidroxietila), hidroxialquil ésteres de acidos fosfo-
ricos, polifosfato de aménio (APP) ou (HOSTAFLAM® AP750), oligdmero de
difosfato de resorcinol (RDP), retardantes de chama fosfazenos e difosfato
de etilenodiamina (EDAP).

Os retardantes de chama contendo nitrogénio s&o, por exemplo,
retardantes de chama com isocianurato, tal como poliisocianurato, ésteres
do &cido isociam]fico ou isocianuratos. Os exemplos representativos: sdo
isocianuratos de hidroxialquila, tal como}tris-(2-hidroxietil)isocianUrato, tris
(hidroximetil) isocianurato, tris (3-hidréxi-n-proil) isocianurato ou triglicidil iso;
cianurato.

Os retardantes de chama contendo nitrogénio incluem os retar-
dantes de chama baseados na melamina. Os exemplos represenfativos sao:
cianurato de melamina, borato de melamina, fosfatos de melamina, polifosfa-
to de melamina, pirofosfato de melamina, polifosfato de aménio melamina
pirofosfato de aménio melamina. '

Os exemplos adicionais sao: benzoguanamina, tris (hidroxietil)

isocianurato, alantoina, glicolurila, cianurato de melamina, fosfato de mela-

“mina, fosfato de dimelamina, pirofosfato de melamina, cianurato de uréia,

polifosfato de melamina, borato de melamina, polifosfato de aménio, polifos-
fato de amodnio melamina ou pirofosfato de aménio melamina, um produto de
condensacao de melamina da série melem, melam, melom e/ou um compos-
to condensado mais elevado ou um produto de reacdo de melamina com
acido fosférico e/ou um produto de reacao de produtos de condensagdo de
melamina com &cido fosférico ou uma mistura disso.

A énfase especial deve ser dada a: pirofosfato de dimelamina,
polifosfato de melamina, melem polifosfato, melam polifosfato, e/ou um poli-
sal variado de tal tipo, mais particularmente polifosfato de melamina. |

Os retardantes de chama organoalogenios representativos sio,

por exemplo:
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Oxido polibromado de difenila (DE-60F, Great Lakes Corp.), 6xi-
do de decabromodifenila (DBDPO; SAYTEX® 102E), tris [3-bromo-2,2-bis
(bromometil)propillfosfato (PB 370®, FMC Corp). Tris (2,3-dibromopropil) fos-
fato, tris (2,3-dicloropropil)fosfato, acido cloréndrico, acido tetracloroftalico,
acido tetrabromoftalico, mistura de trifosfonato poli-a-cloroetila, tetrabromo-
bisfenol bis(2,3-dibromopropiléter) (PE68), resina de epdxi brominada, etile-

'no bis(tetrabromoftalimida) (SAYTEX® BT-93), bis(hexacloro ciclopentadie-

no)ciclooctano (DECLORANE PLUS®), parafinas cloradas, octabromodifenil
éter, derivados de hexaclorociclopentadieno, 1,2-bis(tribromofendxi)etano
(FF680), tetrabromo-bisfenol A (SAYTEX® RB100), etileno. bis-(dibromo-

‘norbornano  dicarboximida) (SAYTEX® BN-451), bis-(hexaclorocicloenta-

deno)ciclooctano, PTFE, tris-(2,3-dibromopropil)isocianurato, e etileno-bis-
tetrabromoftalimida. |

O retardante de chama acima mencionado costumeiramente
combinado com um &xido inorgénico sinergisticamente. O mais comum para
este uso sao o zinco ou o oxido de antimdnio, por exemplo, Sb>03 ou Sb,Os.
Os compostos de boro sdo convenientes, também.

As classes adicionais de retardante de chama supracitadas sdo
vantajosamente contidas na composi¢ao de acordo com a presente invengao
em uma quantidade de aproximadamente 0,5% a ‘aproximadamente 45,0%
em peso do substrato de polimero orgénico; por exemplo, de aproximada-
mente 1,0% avaproximadamente 40,0%; por exemplo, de aproximadamente
5,0% a aproximadamente 35,0% em peso do polimero.

Como acima mencionado, a composi¢gdo de acordo com a pre-
sente invencao pode conter adicionalmente um ou varios aditivo's conven-
cionais, por exemplo, selecionados de pigmentos, tinturas, plastificantes,

antioxidantes, agentes tixotropicos, assistentes de nivelamento, co-estabili-

zadores basicos, passivadores metalicos, 6xido metdlico, compostos organo-

fosforados, novos estabilizadores leves e misturas dos mesmos, particular-
mente pigmentos, fendlicos antioxidantes, estearato de calcio, estearato de
zinco, absorventes de UV do 2-hidréxi-benzofenona, 2-(2'-hidroxifenil) ben-

zotriazol e/ou grupos 2-(2-hidroxifenil)-1,3,5-triazina. Os exemplos mais es-
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pecificos sdo os seguintes componentes:

1. Antioxidantes:

1.1 Monofendéis alquilados, por exemplo, 2,6-di-terc-butil-4-metil-
fenol, 2-terc-butil-4,6-dimetilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-etilfenol, 2,6-di-terc-butil-
4-n-butilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-isobutilfenol, 2,6-diciclopentil-4-metilfenol, 2-

(o-metilcicloexil)-4,6-dimetilfenol, 2,6-dioctadecil-4-metilfenol, 2,4,6-triciclo-
exilfenol, 2,6-di-terc-butil-4-metoximetilfenol, nonilfendis que sao lineares ou
ramificados nas cadeias laterais, por exemplo, 2,6-dinonil-4-metilfenol, 2,4-
dimetil-6-(1'-metil undecil-1) fenol, 2,4-dimetil-6-(1'-metileptadecil-1')fenol,
2,4-dimetil-6-(1'-metiltridecil-1')fenol e misturas dos mesmos.

1.2 Alquiltiometilfendis, por exemplo, 2,4-dioctiltiometil-6-terc-

butilfenol, 2,4-dioctil tiometil-6-metilfenol, 2,4-dioctiltiometil-6-etilfenol, 2,6-

didodeciltiometil-4-nonilfenol.

1.3 Hidroquinonas e hidroguinonas alquiladas, por exemplo, 2,6-
di-terc-butil-4-metdxi fenol, 2,5-di-terc-butilidroquinona, 2,5-di-tefc-ami|idro-
quinona, 2,6-difenil-4-octadeciloxifenol, 2,6-di-terc-butilidroquinone, 2,5-di-
terc-butil-4-hidroxianisol, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxianisol, estearato‘de 3,5-di-
terd-butil-4—hidroxifenila, adipato de bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenila).

1.4 Tocoferdis, por exemplo, o-B-y-6-tocoferol e misturas dos

mesmos (vitamina E).

15 Tiodifenil éteres hidroxilados, por exemplo, 2,2'-tio-bis(6-terc-
butil-4-metilfenol), 2,2'-tio-bis(4-octilfenol), 4,4'-tio-bis(6-terc-butil-3-metilfe-
nol), 4,4'-tio-bis(6-terc-butil-2-metilfenol), 4,4'-tio-bis(3,6-di-sec-amilfenol),
dissulfeto de 4,4'-bis(2,6-dimetil-4-hidroxifenila).

1.6 Alquilidenobisfendis, por exemplo, 2,2'-metileno-bis(6-terc-

butil-4-metilfenol), 2,2'-metileno-bis(6-terc-butil-4-etilfenol), 2,2'-metileno-bis
[4-metil-6-(a-metil cicloexil)fenol], 2,2'-metileno-bis(4-metil-6-cicloexilfenol),

2,2'-metileno-bis(6-nonil-4-metilfenol), 2,2'-metileno-bis(4,6-di-terc-butilfenol), |
2,2'-etilideno-bis(4,6-di-terc-butilfenol), 2,2'-etilideno-bis(6-terc-butil-4-isobu-
tilfenol), 2,2'-metileno-bis[6-(a-metilbenzil)-4-nonilfenol], 2,2'-metile‘no-bis[6‘-
(o, o-dimetilbenzil)-4-nonilfenol], 4,4'-metileno-bis(2,6-di-terc-butilfenol), 4,4'-
metilenebis(6-terc-butil-2-metilfenol), 1,1-bis(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil)
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butano, 2,6-bis(3-terc-butil-5-metil-2-hidroxibenzil)-butano 4-metilfenol, 1,1,3-
tris  (5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil), 1,1-bis(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metil-
fenil)-3-n-dodecil mercaptobutano, etileno glicol bis[3,3-bis(3'-terc-butil-4'-
hidroxifenil)butirato], bis(3-terc-butil-4-hidréxi-5-metil-fenil)diciclopentadieno,
tereftalato de. bis[2-(3'-terc-butil-2'-hidréxi-5'-metilbenzil)-6-terc-butil-4-metil
fenila], 1,1-bis-(3,5-dimetil-2-hidroxifenil) butano, 2,2-bis(3,5-di-terc-butil-4-

_hidroxifenil)propano,  2,2-bis-(5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil)-4-n-dodecil-

mercaptobutano, 1,1,5,5-tetra (5-terc-butil-4-hidréxi-2-metilfenil) pentano.
1.7 Compostos de O-, N- e S-benzila, por exemplo, 3,5,3',5'"-

tetra- terc butil-4,4'-dihidréxi dibenzil éter, octadecil-4-hidroxi-3,5-dimetilben-

- zilmercaptoacetato, tridecil-4-hidroxi-3,5-di-terc-butilbenzilmercaptoacetato,

tris  (3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil) amina, bis(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-
dimetilbenzil) ditiotereftalato, bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil) sulfefo, iso-
octil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil mercaptoacetato. '

1.8 Malonatos hidroxibenzilados, por exemplo, dioctadecil-2,2-
bis(3,5-di-terc-butil-2-hidroxibenzil)malonato, di-octadecil-2-(3-terc-butil-4-
hidroxi-5-metilbenzil) malonato, di-dodecilmercaptoetil-2,2-bis(3,5-di-terc-
butil-4-hidroxibenzil) malonato, bis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenil]-2,2-bis(3,5-
di-terc-butil-4-hidroxibenzil) malonato.

1.9 Compostos de hidroxibenzil aromaticos, por exemplo, 1,3,5-
tris (3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)-2,4,6-trimetilbenzeno, 1,4-bis(3,5-di-terc-
butil-4-hidrbxibenzil)-2,3,5,_6-tetrametilbenzeno, 2,4,6-tris (3,5-di-terc-butil-4-
hidroxibenzil) fenol.

1.10 Compostos de triazina, por exemplo, 2,4- bls(octllmercapto)
6-(3,5-di-terc- butil-4- -hidroxianilino)-1,3,5-triazina, 2- octllmercapto-4 6-bis(3,5-
di-terc-butil-4-hidroxianilino)-1,3,5-triazina, 2-octilmercapto-4,6-bis(3,5-di-
terc-b_util-4-hidroxifenéxi)-1,3,5-t_riazina, 2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxife-

noxi)-1,2,3-triazina, 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil) isocianurato,

1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidréxi-2,6-dimetilbenzil)isocianurato, 2,4,6-tris (3,5-
di-terc-butil-4-hidroxifeniletil)-1,3,5-triazina, 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidro-
xifenilpropionil)-hexahidro-1,3,5-triazina, 1,3,5-tris(3,5-dicicloexil-4-hidroxi-

benzil)isocianurato.
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1.11 Benzilfosfonatos, por exemplo, dimetil-2,5-di-terc-butil-4-

hidroxibenzilfosfonato, dietil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato, diocta-
decil-3,5-di-terc-bu‘til-4-hidroxibenzilfosfonato, dioctadecil-5-terc-butil-4-hidré-
xi-3-metilbenzilfosfonato, o sal de calcio do monoetil ésteres do acido 3,5-di-.
terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonico. -

1.12 Acilaminofendis, -por exemplo, 4-hidréxi lauranilida, 4-

hidroxiestearanilida, N-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)carbamato de octila.
1.13 Esteres do 4cido B-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propidni-

co com &lcoois mono- ou poli-idricos, por exemplo, com metanol, etanol, n-
octanol, i-octanol, octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno glicol,
1,2-propanodiol, neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno glicol, trietileno
glicol, pentaeritritol, tris(hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidrooxietil)oxamidé,
3-tioundecanaol, : 3-tiopentadecanol, trimetilexanodiol, trimetilpropane, 4-
hidroximetil-1-fosfa-2,6,7-trioxa-biciclo[2.2.2]octano, tal como produtos co-
mercialmente disponiveis como Irganox® 1076. :

1.14 Esteres do acido B-(5-terc-butil-4-hidréxi-3-metilfenil) propi-

d&nico como alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metahOI, etanol,
n-octanol, i-octanol, octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno gli-
col, 1,2-propanodiol, neopentil glicol, tio dietileno glicol, dietileno glicol, trieti-
leno glicol, pentaeritritol, tris (hidroxietil) isocianurato, N,N'-bis(hidroxietil) o-
xamida, 3-tioundecanol, 3-tiopenta decanol, trimetiexanodiol, trimetilpropano,
4-hidroximetil-1-fosfa-2,6,7-trioxa-biciclo[2.2.2]octana;  3,9-bis[2-{3-(3-terc-
butil-4-hidréxi-5-metilfenil)propionildxi}-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaespiro

~ [5.5] undecano.

1.15 Esteres do acido B-(3.5-dicicloexil-4-hidroxifenil) propiénico

como alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol, etanol, octa-
nol, octadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno glicol, 1,2-propa-
nodiol, neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno glicol, trietileno glicol, pen-
taeritritol, tris (hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidroxietil)oxamida, 3-tioun-
decanol, 3-tiopentadecanol, trimetilexano diol, trimetilpropano, 4-hidfoximetil;
1-fosfa-2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octano.

1.16 Esteres de acido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil acético como
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alcoois mono- ou poliidricos, por exemplo, com metanol, etanol, octanol, oc-
tadecanol, 1,6-hexanodiol, 1,9-nonanodiol, etileno glicol, 1,2-prbpanodiol,
neopentil glicol, tiodietileno glicol, dietileno glicol, trietileno glicol, pentaeritri-
tol, tris (hidroxietil)isocianurato, N,N'-bis(hidroxietil)oxamida, 3-tioundecanol,
3-tiopentadecanol, trimetilexanodiol, trimetilpropane, 4-hidroximetil-1-fosfa-
2,6,7-trioxabiciclo[2.2.2]octana.

1.17 Amidas do &cido B-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propiénico

por exemplo, N,N'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil propionil) hexametileno
diamida, N,N'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilpropionil)trimetilenodiamida,
N,N'-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilpropionil)hidrazida, = N,N'-bis[2-(3-[3,5-

- di-terc-butil-4-hidroxifenil]propioniloxi)etiljloxamida (Naugard®XL-1, fornecido

por Uniroyal).
1.18 Acido ascdrbico (vitamina C).

2. Estabilizadores a luz.

2.1 2-(2'-hidroxifenil)benzotriazéis, por exemplo, 2-(2'-hidréxi-5'-

metilfenil)benzotriazol, 2-(3',5'-di-terc-butil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(5'-
terc-butil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(2'-hidroxi-5'-fenil (1,1,3,3-tetrametil-
butil))benzotriazol, 2-(3',5'-di-terc-butil-2'-hidroxifenil)-5-clorobenzotriazol, 2-V
(38'-terc-butil-2'-hidr6xi-5"-metilfenil)-5-clorobenzotriazol, 2-(3'-sec-butil-5'-terc-
butil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2—'(2'-hidréxi-4'-oct'ionifenil)benzotriazol, 2-
(3',5'-di-terc-amil-2'-hidroxifenil)benzotriazol, 2-(3',5'-bis(a,a-dimetilbenzil)-2'-
hidroxifeniI')benzotria'zol, 2-(3'-terc-butil-2'-hidroxi-5'-fenil-(2-octiloxicarbonil-
etil))-5-clorobenzotriazol, 2-(3'-terc-butil-5'-[2-(2-etilexiloxi) carboniletil]-2'-
hidroxifenil)-5-clorobenzotriazol,  2-(3'-terc-butil-2'-hidréxi-5'-fenil-(2-metoxi-
carboniletil))-s-clbrobenzotriazol, 2-(3'-terc-butil-2'-hidroxi-5'-fenil '(2-metoxi-'
carboniletil))benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-2'-hidréxi-5'-fenil (2-octiléxi carboni-
letil))benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-5'-[2-(2-etilexiloxi)carboniletif]-2'-hidroxifenil)

benzotriazol, 2-(3'-dodecil-2'-hidréxi-5'-metilfenil)benzotriazol, 2-(3'-terc-butil-

2'-hidroxi-5'-fenilbenzotriazol (2-isooctiloxicarboniletil), 2,2'-metilenobis[4-
(1,1,3,3-tetrametilbutil)-6-benzotriazolil-2-fenol]; o produto da transesteresi-
ficcacdo de 2-[3'-terc-butil-5'-2 (2-metoxicarboniletil)-hidroxifenil]-2H-benzo-
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triazol com polietileno glicol 300; [R—CHchz—COO—CHch,ﬂ; , onde R =

3'-terc-butil-4'-hidréxi-5'-2H-benzotriazol-2-ilfenila, 2-[2'-hidroxi-3'-(o,a-dime-
tilbenzil)-5'-fenil (1,1,3,3-tetrametilbutil)]benzotriazol; 2-[2'-hidréxi-3'-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)-5'-(a, a-dimetilbenzil)fenilloenzotriazol, tais como estabilizado-
res a luz comercialmente disponiveis da série Tinuvin®, tais como TINUVIN
234, 326, 329, 350, 360 ou TINUVIN 1577.

2-Hidroxibenzofenonas, por exemplo, o 4-hidroxi, 4-metdxi, 4-

octiloxi, 4-decildxi, 4-dodeciloxi, 4-benziloxi, 4,2',4'-triidroxi e 2'-hidroxi-4,4'-
dimetoxi derivados.

2.3 Esteres de 4cidos benzoicos substituidos e ndo substituidos,

por exemplo, sa_liciléto de 4-terc-butilfenila, salicilato de fenila, salicilato de
octilfenila, dibenzoil resorcinol, bis(4-terc-butilbenzoil)resorcinol, benzoil re-
sorcinol, 2,4-di-terc-butilfenil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato, 3,5-di-terc-
butil-4-hidroxibenzoato de hexadecila, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de
octadecila, 2-metil-4,6-di-terc-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de buiilfeni-
la.

2.4 Acrilatos, po_r’ex'emplo, etil a-ciano-B,B-difenilacrilatos, o-

ciano-B,B-difenilacrilato de isooctila, a-carbometoxicinamato de metila, o-
ciano-B-metil-p-metoxicinamato de metil, a-ciano-B-metil-p-metoxicinamato
de butila, a-carbometdxi-p-metoxicinamato de metila e N-(B-carbometéxi-B-
cianovinil)-2-metilindolina.

2.5 Compostos de niquel, por exemplo, complexos de niquel de

2,2'-tio-bis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol], tal como o complexo 1:1 ou 1:2,
com ou sem ligantes adicional, tais como n-butilamina, trietanolamina ou N-
cicloexildietanolamina, dibutilditiocarbamato de niquel, sais de niquel do mo-
noalquil ésteres, por exemplo, metila ou etil ésteres, de acido 4-hidroxi-3,5-
di-terc-butilbenzilfosfénico, complexos de niquel de cetoximas, por exemplo,
de 2-hidroxi-4-metilfenilundecilcetoxima, complexos de niquel de 1-fenil-4-
lauroil-5-hidroxipirazol, com ou sem ligantes adicionais.

2.6 Oxamidas, por exemplo, 4,4'-dioctiloxioxanilida, 2,2'-dietoxi-

oxanilida, 2,2'-dioctiléxi-5,5'-di-terc-butoxanilida, 2,2'-didodecil6xi-5,5'-di-terc-
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butoxanilida, 2-etéxi-2'-etiloxanilida, N,N'-bisoxamida (3-dimetil aminopropil),
2-etoxi-5-terc-butil-2'-etoxanilida e a sua mistura com 2-etéxi-2'-étil-5,4'-di-
terc-butoxanilida, misturas de o- e p-metodxi-oxanilidas dissubstituidas e mis-
turas de o- e p-etdxi-oxanilidas dissubstituidas.

2.7 2-(2-hidroxifenil)-1,3,5-triazinas, por exemplo, 2,4,6-tris (2-
hidréxi-4-octiloxifenil)-1,3,5-triazina,  2-(2-hidréxi-4-octiloxifenil)-4,6-bis(2,4-

_dimetilfenil)-1,3,5-triazina, 2-(2,4-dihidroxifenil)-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-

triazina, 2,4-bis(2-hidréxi-4-propiloxifenil)-6-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazina, 2-
(2-hidréxi-4-octiloxifenil)-4,6-bis(4-metilfenil)-1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-
dodeciloxifenil)—4',6-bis(2,4-dimetilfeni|)—1,3,5-triazina, 2-(2-hidroxi-4-tridecilo-
xifenil)-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazina,  2-[2-hidréxi-4-(2-hidréxi-3-bu-
tiloxipropdxi) fenill-4,6-bis(2,4-dimetil)-1,3,5-triazina, 2-[2-hidréxi-4-(2-hidréxi-
3-octiloxipropiléxi) fenil]-4,6-bis(2,4-dimetil)-1,3,5-triazina, 2-[4-(dodeciloxi/
trideciIéxi-2—,hidroxipropéxi)-z-hidroxifenil]-4,6-bis(2,4-dimetilfenil)'-1 ,3,5-triazi-
na, 2-[2-hidréxi-4-(2-hidréxi-3-dodeciloxipropoxi) fenil]-4,6-bis(2,4-dimetil fe;
nil)-1,3,5-triazina, 2-(2-hidréxi-4-hexiléxi) fenil-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2-(2-
hidréxi-4-metoxifenil)-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2,4,6-tris [2-hidroxi-4-(3-buté-
xi-2-hidroxipropéxi)fenil]-1,3,5-triazina, 2-4-6-fenil-1,3,5-triazina (2-hidroxife-
nil) (4-metoxifenil), 2-{2-hidréxi-4-[3-(2-etiIexiléxi-1)-2-hidroxipropiléxi] fenil}-
4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazina.

3. Desativadores metalicos, por exemplo, N,N'-difeniloxamida, N-

saliciIaI-N'-SaIiCiIoiIidrazina, N,N'-bis(saliciloil)hidrazina, N,N'-bis(3,5-di-terc-
butil-4-hidroxifenilpropionil)hidrazina, 3-saliciloilamino-1,2,4-triazol, bis(bem-
zilidano)oxalil diidrazida, oxanilida, isoftaloil diidrazida, sebacoil bisfenilhdra-
zida, N,N'-diacetiladipoil diidrazida, N,N'-bis(saliciloil)oxalil diidraiida, N,N'-
bis(saliciloil) tiopropionil diidrazida.

4. Fosfitos e fosfonitos adicionais, por exemplo, fosfito de trifeni-

la, fosfitos de difenilalquila, fosfitos de fenildialquila, tris fosfito (nonilfenila),

fosfito de trilaurila, fosfito de trioctadecila, difosfito de distearilpentaeritritol,
fosfito de tris(2,4-di-terc-butilfenil), difosfito de diisodecil pentaeritritol, difosfi-
to de bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritol, difosfito de bis(2,4-di-cumilfenil)
pentaeritritol, difosfito de bis(2,6-_di-terc-butiI-4-metiIfenil)pentaeritritol, difosfi-
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to de diisodecildxi- pentaeritritol, difosfito de bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)
pentaeritritol, difosfito de bis(2,4,6-tris (terc-butil fenil)pentaeritritol,'trifosfito
de tri-estearil sorbitol, tetraquis (2,4-di-terc-butilfenil)4,4"-bifenileno difosfoni-
ta, 6-isooctildxi-2,4,8,10-tetra-terc-butil-12H-dibenzil[d,g]-1,3,2-dioxafosfoci-
na, fosfito de bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)metila, fosfito de bis(2,4-di-terc-
butil-6-metilfenil)etila, 6-fluor-2,4,8,1 O-tetra-terc-bUﬁI-1 2-metil-dibenz[d,g]-
1,3,2-dioxafosfocina, 2,2',2"-nitrila [trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terc-butil-1,1'-bife-
nil-2,2'-diil) fosfito], 2-etilexil (3,3',5,5'-tetra-terc-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfi-
to, 5-butil-5-etil-2-(2,4,6-tri-terc-butilfenéxi)-1 ,3,2-dioxafosfirano.

Os seguintes fosfitos sdo particularmente preferidos:

Tris (2,4-di-terc-butilfenil) fosfito (Irgafos®168, Ciba Specialty
Chemicals), tris (nonilfenil) fosfito, |

(CH,),C C(CH,),
o
(A) HC—CH ~ P—F
o)
C (CH,),
(CH,),C
(CH3)3 CCHy), ]
ge
P O—CH,CHy =N (p)
e
(CHy),
C(CH,),
- -3
(CHy),C C(CHy),
‘ 0
/\ —O—CH,CH(C,H,)CH,CH, €
Oy
(CH,),C

C(CH,),
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C

C(CH,), (CHy)
C(CH,), (CH,),C %
CH3)3 (CH,),
/O O\ |
Hy;Cg—O—P X P—0—C,H
o) o}
(F)
— C|7H3 -
H,C—C—CH
. O—~P—OCH,CH, (@)
H,C
3 \C CH
7~ 3
H,C \CH3

~ 5. Nitronas adicionais, por exemplo, N-benzil-alfa-fenilnitrona, N-

etil-alfa-metilnitrona, N-octil-alfa-heptilnitrona, N-’Iauril-alfa-undeciInitrona, N-

. tetradecil-alfa-tridecilnitrona, N-hexadecil-alfa-pentadecilnitrona, N-octadecil-

alfa-heptadecilnitrona, N-hexadecil-alfa-heptadecilnitrona, N-ocatadecil-alfa-

5 pentadecilnitrona, N-heptadecil-alfa-heptadecilnitrona, N-octadecil-alfa-hexa-

decilnitrona, nitrona derivada de N,N-dialquilidroxil amina derlvada de amina

hidrogenada de sebo.

6. Tiossinerqisticos, por exemplo, tiodipropionato de dilaurila ou

tiodipropionato de distearila.

10 7. Sequestrantes de perdxido, por exemplo, ésteres &cido o-tio-

dipropibnico, por exemplo, os ésteres de laurila, estearila, miristila ou trideci-

la, mercaptobenzimidazol ou o sal de zinco dos 2-mercapto benzimidazol,

zinco dibutil ditiocarbamato de pentaeritritol, dissulfeto de dioctadecila, tetra-

quis(a-dodecilmercapto)propionato.
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8. Estabilizadores de poliamida, sais, por exemplo, de cobre em
combinagdo com iodetos e/ou compostos de fosforo e sais de manganés
divalente.

9. Co-estabilizadores basicos, por exemplo, melamina, polivinil-

pirrolidona, dicianodiamida, cianurato de trialila, derivados de uréia, poliami-
da, poliuretano, sais de metal alcalino e sais de metal -alcalino-terrosos de
acidos graxos superiores, por exemplo, estearato de caicio, estearato de
zinco, behenato de magnésio, estearato de magnésio, ricinoleato de sédio e
palmitato de potassio, pirocatecholato de antiménio ou pirocatecholato de
zinco. ‘

10. Agentes de nucleagdo, por exemplo, substancias inorgéni-

cas, tais como talco, éxido metalico, tal como didxido de titdnio ou déxido de
magnésio, fosfatos, carbonatos ou sulfato de, preferivelmente, metais alcali-
no-terrosos; compostos organicos, tal como acidos mono ou policarboxilicos
e os sais dos mesmos, por exemplo, acido 4-terc-butilbenzoico, écido adipi-
co, acido difenilacetico, succinato de sédio ou benzoato de sédio; compostos
poliméricos, tais como copolimeros iénico (iondmeros). Particularmente pre-
ferido sdo 1,3:2,4-bis(3',4'-dimetil benzilidano)sorbitol, 1,3:2,4-di(parametil
dibenzilideno) sorbitol, e 1,3:2,4-di (benzilidano) sorbitol.

| 11. Agentes de carga e agentes reforco adicionais, por exemplo,

carbonato de calcio, silicato, fibras de vidro, bulbos de vidro, fibras de ago
inoxidavel, fibras de aramida, asbeSto, talco, caulim, mica, sulfato de bario,
oxido metdlico e hidroxido, negro-de-fumo, grafite, serragem e pés ou fibras
de outros produtos naturais, fibras sintéticas.

12. Qutros aditivos, por exemplo, misturas de reagentes de com-

patibilizagcao, plastificantes, lubrificantes, emulsificantes, pigmentos, aditivos

de reologia, catalisadores, agentes de controle do fluxo, branqueadores 6ti-

cos, agentes de protecdo contra chama, agentes antiestaticos e agentes de
sopro. '

13. Benzofuranonas e indolinonas adicionais, por exemplo, 0s
descritos nas Especificagbes de Patente US N° 4.325.863; 4.338.244;
5.175.312; 5.216.052; ou 5.252.643; DE 4316611, DE 4316622, DE
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4316876; EP-A-0589839 ou EP-A-0591102 ou 3-[4-(2-ace toxietdxi)fenil]-5,7-
di-terc-butilbenzofuran-2-ona-5,7-di-terc-butil-3-[4-(2-estearoiloxietoxi)fenil]
benzofuranona-2,3,3'-bis[5,7-di-terc-butil-3-(4-[2-hidroxietdxilfenil)  benzofu-
ran-2-ona), 5,7-di-terc-butil-3-benzofuran-2-ona-(4-etoxifenil), 3-(4-acetoxi-
3,5-dimetilfenil)-5,7-di-terc-butil benzofuran-2ona-3-(3,5-dimetil-4-pivaloiloxi-
fenil)-5,7-di-terc-butilbenzofuran-2-ona-3-(3,4-dimetilfenil)-5,7-di-terc-butil-

‘benzofuran-2-ona-3-(2,3-dimetilfenil)-5,7-di-terc-butilbenzofuran-2-ona.

Os aditivos adicionais preferidos das composi¢cdes definidas a-
cima sao estabilizadores de processamento, tais como os fosfitos supracita-

dos e antioxidantes fendlicos, e estabilizadores de branqueamento, tais co-

-mo benzotriazéis. Os antioxidantes especificos preferidos incluem propiona-

to de octadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)- (IRGANOX 1076). Os esta-
bilizadores de processamento especificos incluem tris(2,4-di-terc-buiilfenil)
fosfito (IRGAFOS 168) e tetraquis(2,4-di-terc-butilfenil)-4,4-[1,1-bifenil]"-diil-
bisfosfonita (IRGAFOS P-EPQ). Os estabilizadores a luz especificos incluem
2-(2H-benzotriazolil-2)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol  (TINUVIN 234), 2-(5-
cloro (2H)-benzotriazolil-2)-4-(metil)-6-(terc-butil)fenol (TINUVIN 326), 2-(2H-
benzotriazolil-2)-4-(1,1 ,3,3-tetrametilbutil) fenol (TINUVIN 329), 2-(2H-benzo-
triazolil-2)-4-(terc-butil)-6-(sec-butil) fe'no_l (TINUVIN 350), 2,2'-metilenobis(6-
(2H-benzotriazolil-2)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol) (TINUVIN 360), e 2-(4,6-
difenil-1,3,5-triazinil-2)-5-[(hexil)éxi]-fenol (TINUVIN 1577).

’ Os aditivos acima mencionados sao preferivelmente contidos em
uma quantidade de 0,01% a 10,0%, especialmente 0,05% a 5,0%, quanto ao
peso do componente de polimero b).

A inéorporagéo do componente adicional a) e outros c'omponen-'
tes opcionais no componente de polimero b) é executada por métodos co-
nhecidos, tais como mistura seca na forma de um pd, ou mistura molhada na
forma de solugdes, dispersdes ou suspensdo por exemplo, em um solvente
inerte, agua ou 6leo. Os componentes adicionais a) e outros aditivos opcio-
nais podem ser incorporados, por exemplo, antes ou depois da moldagem
ou também aplicando o dispersante dissolvido na mistura adicional ou adi-

cional ao material de polimero, com ou sem a evaporag¢ao subsequente do
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solvente ou o agente de suspensao/dispersao. Eles podem ser acrescenta-
dos diretamente no aparelho de processamento (por exemplo, extrusdras,
misturadores interhos, etc.), por exemplo, como uma mistura seca ou pd, ou
como uma solugao ou dispersao ou suspensao ou fusao.

A adicao dos componentes adicionais ao 's'ubstrato polimérico b)
pode ser executada em todas as maquinas de mistUra usuais nas quais 0
polimero é derretido e misturado com os aditivos. As maquinas convenientes
sdo conhecidas aos versados na técnica. Elas sdo predominantemente mis-
turadores, moinhos e extrusoras.

0] pr’obesso é preferivelmente executado em uma extrusora in-
troduzindo o aditivo durante o processamento. '

As méquinas de processamento particularmente preferidas séd
extrusoras de parafuso unico, extrusoras de parafusos gémeos contra rotato-
rios, extrusoras de engrenagem planetaria, extrusoras de anel ou co-
moinhos. E também possivel usar maquinas de processamento brovidas de
pelo menos um compartimento de remog&o de gas ao qual o vacuo pode ser
aplicado. S ' ‘

Extrusoras e moinhos adequados sdo descritos, por exemplo, no
Handbuch der Kunststoffextrusion, Vol. 1 Grundlagen, Editors F. Hensen, W.
Knappe, H. Potente, 1989, pp. 3-7, ISBN:3-446-14339-4 (Vol. 2 Extrusion-
sanlagen 1986, ISBN 3-446-14329-7).

Por exemplo, o comprimento de parafuso é de 1 a 60 diametros
do parafuso, preferivelmente de 35 a 48 didametros do parafuso. A velocidade
rotativa do parafuso é preferivelmente de 10 a 600 rotagbes por minuto
(rpm), preferivelmente de 25 a 300 rpm.

A maxima quantidade tratada é dependente do didmetro de pa-
rafuso, da velocidade de rotacao e da for¢a motriz. O processo da presente
invengao também pode ser executado a um nivel mais baixo do que a quan-
tidade tratada maxima variando os parametros mencionados ou empregando
maquinas de pesagem liberando quantidades dosadas. | |

Se diversos componentes forem acrescentados, estes podem

ser pré-misturados ou serem acrescentados individuaimente.
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O componente de aditivos a) e aditivos adicionais opcionais
também podem ser borrifados no substrato polimérico b). A mistura adicional
diluem outros aditivos, por exemplo, os aditivos convencionais indicados a-
cima, ou a sua mistura para que eles possam ser borrifados também em
conjunto com estes aditivos para o substrato polimérico. A adicdo borrifada
durante a desativa¢do dos catalisadores de polimerizacdo é particularmente

-vantajosa; neste caso, o vapor desenvolvido pode estar usado para a desati-

vagao do catalisador. No caso de poliolefinas esfericamente polimerizadas,
por exemplo, pode ser \)antajoso aplicar os aditivos de acordo com a presen-
te invengéo, opcionalmente em conjunto com outros aditivos, por borrifamen-
to. ' |

O componente adicional (a) e aditivos adicionais opcionais tam-
bém pode ser acrescentados ao polimero na forma de uma batelada master
("concentrado") contendo os cdmponentes em uma concentragdo de, por
exemplo, aproximadamente 1,0% a aproximadamente 40,0% e preferivel-
mente 2,0% a aproximadamente 20,0% em peso incorporado em um polime-
ro. O polimero é ndo necessariamente de estrutura idéntica do polimero on-
de os aditivos séo finalmente acrescentados. Em tais operagdes, o polimero
pode estar usado na forma de pd, granulos, solugdes, e suspensio ou na
forma de trelicas.

A incorporagdo pode ocorrer antes ou durante a operagdo da
formagdo. Os materiais contendo aditivos de acordo com a presente inven-
¢ao aqui descrita preferivelmente sdo usados para a produgdo de artigos
moldados, artigos por exemplo, rotomoldados, artigos de moldagem por inje-
¢ao, perfis e similares e particularmente uma fibra, um tecido tramado por
torcéao, filme ou espuma.

Assim, a presente mvengao também pertence a um artigo mol-

_dado ou extrudado, uma fibra, um tecido nao tecido tramado por tor¢do ou

uma espuma compreendendo a composi¢ao de acordo com a presente in-
vengao.

Os seguintes exemplos ilustram a presente invengéo:
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EXem plos
Materiais e Métodos

A Resiha PC 145 (GE Plasticos) é seca a vacuo por 8 ha 120°C
e estabilizada com IRGAFOS® P-EPQ (Ciba Specialty Chemicals). O Dyne-.
on PA5931 (=PTFE) é usado como um agente antidispersante.

As composi¢des do policarbonato mostradas na Tabela 1 sédo
extrudadas em umé Haake TW-100 a 280°C e granulada pela granulagido de
fibra. Depois de secar a 120°C por 12 h, as composicées granuladas sao
moldadas por inje¢do a 290°C em placas de moldagem com espessura de
1,6 mm ou de 3,2 mm de acordo com o padrao de retardo de chama do Un-
derwriter's Laboratories UL-94. , '

O retardo de chama € testado de acordo com o UL-94 no modb

vertical.
Resina

Exemplo PG 145 IRGAFOS FR PTFE _ UL-94
1 99,32 | 0,08 0,1 (1) 0,5 V-0 (1,6 mm)
2 9932 | 008 | 01(2) 0.5 V-0 (1,6 mm)
3 99,32 0,08 0,1 (3) 0,5 V-0 (1,6 mm)
4 99,82 0,08 0,1 (1) i V-0 (3,2 mm)
5 99,57 0,08 0,1 (4) 025 | V-0(1,6mm)
6 99,32 0,08 0,1 (4) 0,5 V-0 (1,6 mm)
7 99,57 0,08 0,1 (5) 025 | V-0(1,6 mm)

Eéirr:g'.o 99,92 008 | - i V-2 (1,6 mm)

Retardantes de chamas (FR) presentes na composigao:

(1) TINOPAL SFP: 4,4'-bis(2-amino-4-monoetanolamino-6-S-
triazinil)-diaminoestilbeno-2,2'-dissulfonato de sédio (férmula estrutural aci-
ma, cf. definicdes do componente a)). _

(2) TINOGARD HS: 3-(2H-benzotriazolil-2)-4-hidréxi-5-benzeno
(1-metilpropil)sulfonato de sédio (férmula estrutural acima, cf. definicbes do
componente a)).

(3) TINOPAL CBS: 2,2'-(4,4'-bifeniIdiiIdi-2,1-etenodiil)-dibenze-

nossulfonato dissodico (férmula estrutural acima, cf. definicdes do compo-
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nente a)).
(4) TINOGARD AO 6 (formula estrutural acima, cf. definigées de
componente (a)).
(5) TINOGARD AO 6 K (sal de potassio do TINOGARD AO 6, cf.
5 definigbes de componente a).



REIVINDICACOES
1. Composi¢cao compreendendo:
a) pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromético selecio-
nado do grupo consistindo em:
5 a) sais do 4cido triazinilamino estilbeno dissulfénico da formula:

M,
SO, M =N
® : N\ |\1>_R1

em que:

Rs e Ry independentemente um do outro representam -NHj,
-NH-alquil(C+4-Cy4), -N(alquil(C1-C4))2, -NH-hidréxi-alquil(C»-Cs), -N(hidréxi-
alquil(C2-Ca))2, -N(alquil(C1-Ca))(hidréxi-alquil(C2-Ca)), fenilamina, difenilami-

10  na, fenilamina ou difenilamina substituida por 1 a 3 substituintes seleciona-
dos do grupo consistindo em -S(=0)-O" M*, alquil(C1-C.) e aIcox:(C1 C4) ou
heterociclico saturado de 5 ou 6 membros com heteroatomo de N;

R+' e Ry' s@o definidos tal como R; e Rp; e

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation

15 formado de uma amina; |

ap) sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico da

férmula:

N HO SO, M*

X \Nﬁ
(I
x 7/
R; N A R,
em que:
R1 representa o hidrogénio, alquil(C+-C,) ou o grupo S(=0),-O" M*;
20 R representa o hidrogénio ou hidréxi;

Rs representa o hidrogénio, alquil(C+-Cs4), alcoxi(C4-Cy4) ou benzi-
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M* representa um atomo de metal alcalino, amonio ou um cation
formado de uma amina;

as) derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno da férmula:

em que:

Rs e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte se lecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*,
alquil(C4-C,), fenil-alquil(C1-Ca), hidroxi e alcoxi(C4-Ca);

R4+, R2' e R3' independentemente um do outro representam o hi-
drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O
M", alquil(C1-Ca), fenil-alquil(C1-Ca), hidréxi e alcoxi(Ci-Ca); € |

M representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina; e |

| a4) derivados de 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno substituido por

sulfo da férmula: |

R, : 2 -
N N .
wos B Q4B o

em que: .

R1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*,
alquil(C4-Ca), fenil-alquil(C4-Cs), hidroxi e alcoxi(C1-Ca);

Ri', R2' e R3' Ry e R independentemente um do outro represen-

tam o hidrogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em

VS(=O)2-O' M*, alquil(C4-Ca), fenil-alquil(C1-Ca), hidréxi e alcoxi(C1-Ca); e

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation
formado de uma amina;

as) derivados de fenol substituido por sulfo da férmula:
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R, 0O
Ar—S0O. M* V),
H O‘@’Xkl}l/ &)
i R Ra

em que: '

R+ e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em alquil(C1-Cy),
cicloalquil(Cs-Cg), cicloalquil(Cs-Ce)-alquil(C4-C,), arila e aril-alquil(C4-C,);

| R3 representa o hidrogénio ou alquil(C4-C,); | '

X repr}esenta alquileno(C,-Ce);

Ar répresenta fenila, fenila substituida por 1 ou 2 substituintes
selecionados do grupo consistindo em alquil(C4-C,), cicIoanuil(Cs-Ce), ciclo-
alquil(Cs-Ce)-alquil(C+-C,), arila e aril-alquil(C4-C,4), naftila ou naftila substitui-
da por 1 a 4 alquil(C-Cy); e |

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation
formado de uma amina; e como um componente adicional um agente anti-
dispersante; e | | _

_ b) um substrato polimérico compreendendo o policar_bonatd ou
misturas de policarbonato.
_ 2. Composigao de acordo com a reivindicagdao 1, compreenden-
do: '
a) pelo menos um sal de um acido sulfonico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em: '

a1) sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (1), em que:

R: e R independentemente um do outro representam -NH,, -
N(alquil(C1-Ca))2, fenil amino substituido por 1 a 3 substituintes selecionados
do grupo consistindo em -S(=0)-O" M*, alquil(C1-C4) e alcéxi(C1-Cs), ou N-
heterociclica saturada de 5 ou 6 membros;

R1' e Ry’ séo definidos tal como Rs e Ry; e

M* representa um atomo de metal alcalino; _

az) sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),
em que

R+ representa o hidrogénio;
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Rz representa o hidrogénio; e

R3 representa o hidrogénio ou alquil(C+-Cy); e

M* representa um atomo de metal alcalino;

as) derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno (lll), em que:

R, e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C¢-C,);

um dos Ry, R2' e Ry' representam S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio ou alquil(C+-C,); e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

as4) derivados de 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno substituido por

-sulfo (IV), em que

R1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C+-Cy);
R+, R2' e Rs' independentemente um do outro representam o hi-

drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O

M* e alquil(C-Ca); e
M representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:
-Rie Rz independentemerite um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Cy); _
R3 representa o hidrogénio ou alquil(C4-C,);
"X representa alquileno(Cy-Cé): |
Ar representa fenila ou fenila substituida por 1 ou 2 alquil(C1-Cy);

M* representa um atomo de metal alcalino;
e

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou

misturas de policarbonato.

3. Composigcdo de acordo com a reivindicagédo 1, compreenden-
do:
a) pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-

nado do grupo consistindo em:
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ai) sais do 4cido triazinilamino estilbeno dissulfénico (l), em que:

R e Rz independentemente um do outro repr_esentam -N (al-
quil(C4-C,))2, fenilamina substituida por 1 ou 2 -S(=0),-O" M*, ou morfolinila;

M* representa um atomo de metal alcalino; e

R,' e Ry' séo definidos tal como Ry e Ry;

ap) sais do acido 2-(2-hidroxifeniI)-2H-behzotriazoliI-sulfénico(ll),

em que:
R1 representa o hidrogénio ou alquil(C1-C);
Rz representa o hidrogénio ou hidroxi; e
Rs representa o hidrogénio ou alquil(C+-C,); e
M* representa um atomo de metal élcalino; e
as) derivados de bisestilbeno substituido por sulfofenil (lll), erh
que:

Ry e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Cy,); ’

um dos R¢', R2' e R3' representam -S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio ou alquil(C+-C,); e ' '

as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:

um dos Ri e Rq representa metila e outro representa terc-butila
ou ambos de R1 e Rs representam terc-butila;

Rs representa o hidrogénio ou metila;

X representa alquileno(C2-C,);

Ar representa fenila substituida por 1 metila e 1 terc-butila ou por'
2 terc-butila; e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato. |

4. Composic¢do de acordo com a reivindicagdo 1, compreenden-
do:

a) pelo menos um sal de um acido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em:

a1) sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfonico (l), em que:
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um dos R; e Ry representa -N(alquil(C4-Cs))2 e outro representa

fenilamina substituida por 2 -S(=0),-O" M*;

em que:

R+' e Ry’ sdo definidos tal como Ry e Ry; e
M* representa um &tomo de metal alcalino;

ap) sais do acido .2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),

R, e Ry representam o hidrogénio; e

Rs representa o hidrogénio ou alquil(C4-C,); e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

az) dérivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno (lll), em que:
R1 e Rz representam o hidrogénio;

um dos R+, R2' e R3' representam S(=0),-O" M* e os outros re-

presentam o hidrogénio; e

M* representa um éfomo de metal alcalino; e

as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:
R e Rz representam terc-buitila;

R3 representa o hidrogénio;

X representa o etileno;

Ar representa fenila substituida por 2 terc-butila; e

M* representa um atomo de metal alcalino; e

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou

misturas de policarbonato.

do:

5. Composi¢cdo de acordo com a reivindicacdo 1, compreenden-

pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecionado

do grupo consistindo em:

la:

a1) um sal do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico da férmu-



(|32Hs
N—C,H,
N=
*M 0.8 'KJ'—‘(\ —<N
3 N—2% 'M'0,8
ey
SO, M SO, M N, )N—-CH, ().
>N
HN

i SO, M*
M 0,S

az) um sal do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico
da formula: ' '

HO
N
7\
L
N -
SO, M

e .
az) um derivado substituido do sulfofenil bisestilbeno da formula

SO, M’ ‘M 0,8

@ " @ (Iy;

as) um derivado de fenol substituido por sulfo da férmula

Ho- g@ k/\cg

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato.

O

6. Composi¢ao de acordo com a reivindicagdo 1, que adicional-

mente compreende como um componente adicional um agente antidisper-
10 sante.

7. Composicédo de acordo com a reivindicagao 1, que adicional-

mente compreende aditivos adicionais selecionados do grupo consistindo



em estabilizadores de polimero e retardantes de chama adicionais.

8. Processo para fornecer o retardamento de chama a um subs-
trato polimérico compreendendo os policarbonatos ou misturas de policarbo-
nato, cujo processo compreende a adi¢ao ao dito substrato polimérico do sal
de um &cido sulfénico aromatico como definido na reivindicagéo 1.
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RESUMO
Patente de Invengdo: "COMPOSIGOES RETARDANTES DE CHAMA DE
SULFONATO AROMATICO".

A presente invengao refere-se a cdmposicées retardantes de
chama, em que os sais de acidos shlfc‘micos arométiébs selecionados estdo
presentes em um substrato de policarbonato. As cbmposit;ées atingem a
avaliagao desejavel de V-0, de acordo com o UL-94 (Underwriter's Laborato-
ries Subject 94) e outras excelentes avaliagbes em métodos de teStagem
relacionados, preServando as excelentes propriedades mecén'icas, quimicas -

e térmicas dos policarbonatos, tais como a clara transparéncia.



Novo quadro reivindicatério (total de 9 reivindicagbes), incorpo-
rando as emendas as reivindicagées conforme Relatério de Exame Prelimi-

nar.



REIVINDICAGOES
1. Composi¢ao compreendendo: |
a) pelo menos um sal de um &cido sulfénico aromatico selecio-

nado do grupo consistindo em:

5 ay) sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico da férmula:
_<R’
N=
R;— N P
2 N4 M 0,8

B
H N O H ),
o SO, M | N>\=N/>_H1'_
R, N
em que:

R e R. independentemente um do outro representam -NHp,
-NH-alquil(C4-C4), -N(alquil(C1-Ca4))2, -NH-hidréxi-alquil(C2-Cas), -N(hidroxi-
alquil(C2-C,))2, -N(alquiI(C1-C4)V)(hidréxi-alquiI(Cg-Co,)), fenilamina, difenilami-

10  na, fenilamina ou difenilamina substituida por 1 a 3 substituintes seleciona-
dos do grupo consistindo em -S(=0),-O" M*, alquil(C;-Cy) e alcoxi(C1-Ca), ou
N-heterociclica saturada de 5 ou 6 membros; |

R+’ e Ry' sdo definidos tal como R e Ry; e

M* representa um &tomo de metal alcalino, aménio ou um cétion

15 formado de uma amina;

ap) sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico da

férmula:

N HO SO, M"

2N
S, -

R; N R, | R, -

em que:
R, representa o hidrogénio, alquil(C1-C4) ou 0.grupo S(=0),-O° M*;
20 R2 representa o hidrogénio ou hidréxi; '

Rs representa o hidrogénio, alquil(C1-C4), alcéxi(C4-C4) ou benzi-
la; e
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M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina;
as) derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno da férmula:

em que:
R1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em .S(=0),-O" M*,

“alquil(C4-Cy), fenil-alquil(C1-C4), hidroxi e alcoxi(C4-Ca);

Ri', R2' e R3' independentemente um do outro representam o hi-
drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(#O)Z-O'
M?*, alquil(C4-C,), fenil-alquil(C1-C4), hidroxi e alcoxi(C-Ca); e
' M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation
formado de uma amina; e
a4) derivados substituidos do sulfo 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno

R, 2
N N .
- ‘033‘@: \>—@—<S\/ ﬁ—n, (v),
o 0

R:1 e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-

da férmula:

em que:

nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O" M*,"
alquil(C4-C,), fenil-alquiI(C1-C4), hidréxi e alcoxi(C-C,);
R+, R2' e R3' Ry e Rz independentemente um do outro represen-

tam o hidrogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em

'S(=O)2-O' M?*, alquil(C4-Cy,), fenil-alquil(C4-Cy), hidroxi e alcéxi(C1-Ca); €

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina;

as) derivados de fenol substituido por sulfo da férmula:
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L
Ar—S0O. M* V),
HO—@—X 1}1/ 8
R R

em que:

R e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em alquil(C1-Cy),
cicloalquil(Cs-Cg), cicloalquil(Cs-Ce)-alquil(C1-Cy), arila e aril-alquil(C4-C,);

Rs representa o hidrogénio ou alquil(C+-C,); |

X représenta alquileno(C2-Ce);

Ar répresenta fenila, fenila substituida por 1 ou 2 substituintes
selecionados do grupo consistindo em alquil(C¢-Cy), cicIoanuiI(Cs-Cs), ciclo-
alquil{Cs-Ce)-alquil(C+-C,), arila e aril-alquil(C+-C4), naftila ou naftila substitui-
da por 1 a 4 alquil(C;-Ca); €

M* representa um atomo de metal alcalino, aménio ou um cation
formado de uma amina; e como um componente adicional um agente anti-
dispersante; e | | |

b) um substrato polimérico compreendendo o poIicarbonato ou
misturas de policarbonato. o

2. Composigédo de acordo com a reivindicagdo 1, compreenden-
do politetrafluoretileno como um agente adicional antidispersante.

3. Composicdo de acordo com a reivindicacdo 1, compreenden-
do:

a) pelo menos um sal de um acido sulfénico aromatico selecio-
nado do grupo consistindo em:

ai) sais do &cido triazinilamino estilbeno dissulfénico (I), em que:

R: e Rz independentemente um do outro representam -NH,,
-N(alqqu(C1-C4))2, fenil amino substituido por 1 a 3 substituintes seleciona-
dos do grupo consistindo em -S(=0),-O" M*, alquil(C1-C4) e alcoxu(C1-C4), ou
heterociclico saturado de 5 ou 6 membros com heteroatomo de N;

R1' e Rz’ sdo definidos tal como Ry e Ry; e

M representa um atomo de metal alcalino;

ap) sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),
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em que:
R; representa o hidrogénio;
Rz representa o hidrogénio; e
R3 representa o hidrogénio ou alquil(C1-Cs); e
M* representa um dtomo de metal alicalino;
as) derivados substituidos do sulfofenil bisestilbeno (lll), em que:
AR1‘ e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C4-Cy);
um dos Ry, R2' e R3' representam S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrbgénio ou alquil(C+-Cy); e
M* representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de 2,5-bis-(benzoxazolil)-tiofeno substituido por
sulfo (IV), em que: |
R: e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C1-C,);
| R+, R2' e Rs' independentemente um do outro representam o hi-
drogénio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em S(=0),-O
M* e alquil(C4-Ca); e
- M* representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:
R, e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C1-Ca);
Rs representa o hidrogénio ou alquil(C4-Cy);
X representa alquileno(C2-Ce);

Ar re.presenta fenila ou fenila substituida por 1 ou 2 alquil(C4-C,4);
M* representa um atomo de metal alcalino;

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato.

4. Composigao de acordo com a reivindicagdo 1 compreenden-
do:
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a) pelo menos um sal de um 4cido sulfénico aromético selecio-
nado do grupo consistindo em: 1 |

a4) sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (l), em que:

Ry e Rz independentemente um do outro representam -N (al-
quil(C4-C4))2, fenilamina substituida por 1 ou 2 S(=O)2-O' M*, ou morfolinila;

M* representa um atomo de metal alcalind; e

R1' € Ry’ sao definidos tal como R, e Ry;

a») sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),

em que: |
R, répresenta o hidrogénio ou alquil(C1-Cy);
Rz representa o hidrogénio ou hidréxi; e
Rs representa o hidrogénio ou alquil(C+-Cy); e
M* representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de bisestilbeno substituido por sulfofenil (lll), em
que: :

R: e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou alquil(C+-Cy,); '

um dos Ry, R2' e Rs' representam S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio ou alquil(C+-C,); e
| as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:

um dos R; e Ry representa metila e outro representa terc-butila
ou ambos de Ry e Rz representam terc-butila;

Rs representa o hidrogénio ou metila;

X representa alquileno(Cg-C4);

Ar representa fenila substituida por 1 metila e 1 terc-butila ou por
2 terc-butila; e _
~ M* representa um atomo de metal alcalino; e

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou |
misturas de policarbonato. '

5. Composi¢ao de acordo com a reivindicagao 1, compfeenden?
do:

a) pelo menos um sal de um acido sulfdnico aromatico selecio-
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nado do grupo consistindo em:
ai) sais do acido triazinilamino estilbeno dissulfénico (I), em que
um dos R¢ e R: representa -N(alquil(C+-Ca)). e outro representa
fenilamina substituida por 2 -S(=0),-O" M*; |
R+' e Ry’ sé@o definidos tal como R; e Rp; e
M* representa um dtomo de metal alcalino;

az) sais do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico(ll),

em que:
R, e Rz representam o hidrogénio; e
Rs relpresenta o hidrogénio ou alquil(C+-Cy); e
M* representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de bisestilbeno substituido por sulfofenil (lil), em

que:

R+ e Rz representam o hidrogénio;
um dos Ry, Ry' e R3' representam S(=0),-O" M* e os outros re-
presentam o hidrogénio; e
M* representa um atomo de metal alcalino; e
as) derivados de fenol substituido por sulfo (V), em que:
- R1 e Rz representam terc-butila;
Rs representa o hidrogénio;
X representa o etileno;
“ Ar'representa fenila substituida por 2 terc-butila; e
M* representa um atomo de metal alcalino; e
b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de poIiCarbonato. | '
6. Composicdo de acordo com a reivindicacao 1, compreenden-
do: |
pelo menos um sal de um acido sulfénico aromatico selecionado
do grupo consistindo em:
a4) um sal do &cido triazinilamino estilbeno dissulfénico da férmu-

la:
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,2 5
—C,H,
*M0.,S H—(N=<N
3 "N—4 ‘M 0,8

RGN N
H N

SO, M* SO, M* =N '(I;ZHS

3 3 N, )—N—CH (),

az) um sal do acido 2-(2-hidroxifenil)-2H-benzotriazolil sulfénico
da férmula:

(1)
SO, M*

as) um derivado de bisestilbeno substituido por sulfofenil da for-

mula:
‘M 0,S
G " @ ()
as) um sal de um derivado de fenol substituido por sulfo da fér-
mula:

:([) =0

o

b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato.

7. Composigdo de acordo com a reivindicagdo 1, que adicional-
mente compreende também aditivos selecionados do grupo consistindo em
estabilizadores de polimero e retardantes de chama adicionais.



10

15

20

8. Composi¢cao compreendendo:
as) derivados de fenol substituido por sulfo da féormula:

. Ar—SO.M* (W),
HO@—X N ’
R R |

em que:

R e Rz independentemente um do outro representam o hidrogé-
nio ou um substituinte selecionado do grupo consistindo em alquil(C4-Cy),
cicloalquil(Cs-Cs), cicloalquil(Cs-Ce)-alquil(C1-Cy), arila é aril-alquil(C4-Cy);

Rs representa o hidrogénio ou alquil(C+-C.);

X representa alquileno(C2-Ce);

Ar representa fenila, fenila substituida por 1 ou 2 substituintes
selecionados do grupo consistindo em alquil(C1-C,), cicloalquil(Cs-Cg), ciclo-
alquiI(Cs-CS)-anuiI(C1-C4), arila e aril-alquil(C1-C,4), naftila ou naftila substitui-
da por 1 a 4 alquil(C-C,); e _

M* representa um étomb de metal alcalino, aménio ou um cétion
formado de uma amina; e;

~b) um substrato polimérico compreendendo o policarbonato ou
misturas de policarbonato. |

9. Processo para fornecer o retardamento de chama a um subs-
trato polimérico compreendendo os policarbonatos ou misturas de policarbo-
nato, cujo processo compreende a adi¢ao ao dito substrato polimérico do sal

de um acido sulfénico aromatico de acordo com a reivindicagao 1.
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